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(57) Resumo: METODO PARA A PRODUGCAO DE UMA PLACA
PARA IMPRESSAO LITOGRAFICA. E descrito um método para a
produg¢do de uma placa para impresséo litografica, compreendendo as
etapas de: (a) prover um precursor de placa de impresséao litografica
compreendendo (i) um suporte que possui uma superficie hidrofilica ou
que esta provido com uma camada hidrofilica, (i) um revestimento
sobre o suporte compreendendo uma camada foto polimerizavel e,
opcionalmente, uma camada intermediaria entre a camada foto
polimerizavel e o suporte, em que a camada foto polimerizavel
compreende um composto polimerizavel, um iniciador de
polimerizagédo e um ligante, (b) expor o revestimento a uma imagem
em um compositor de placa, (c) aquecer o precursor em uma unidade
de pré-aquecimento dentro de um periodo de tempo menor do que 10
minutos apdés a etapa (b), (d) tratar o precursor em uma unidade ou
estagdo de gomagem, compreendendo pelo menos uma unidade de
gomagem, pelo que uma solugédo de goma e aplicada ao precursor,
desse modo removendo do suporte areas ndo expostas da camada
foto polimerizavel e gomando a placa em uma Unica etapa.
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METODO PARA A PRODUCAO DE UMA PLACA PARA IMPRESSAO

LITOGRAFICA.

CAMPO DA INVENCAO

A presente invengdo estd relacionada a um método
para produzir uma placa para impressdo litografica em que
um precursor de placa de impressdo de foto polimero de
imagem negativa é exposto a uma imagem, aquecido em uma
unidade de pré-aquecimento dentro de um periodo menor que
10 minutos apdés a exposigcdo a imagem e tratado com uma
solucdo de goma em uma estacdo de gomagem, pelo que a placa
é revelada e gomada em uma unica etapa.
EMBASAMENTO DA INVENCAO

Na impressdo litogrdfica, um chamado “master” ou
matriz .de impressdo, tal como uma placa de impressdo, é
montado sobre um cilindro da prensa. A matriz contém uma
imagem litogré&fica sobre sua superficie e uma cbpia
impressa é obtida pela aplicagdo de tinta a imagem, seguida
por transferéncia da tinta do master para um material
receptor, o qual ¢é tipicamente papel. Na impressdo
litografica convencional, também designada como “umida” ou
“via umida”, a tinta, bem como uma solucdo fonte aquosa
(também denominada como liquido umectante), sdo alimentadas
a imagem litografica, a qual consiste de Areas oleofilicas
(ou hidrofébicas, isto é, que aceitam a tinta mas repelem a
agua), bem como areas hidrofilicas (ou oledfébicas, isto &,
que aceitam agua e repelem tinta). Na chamada impresséao
“driogréafica”, a 1imagem litogradfica consiste de &reas

receptoras de tinta e &reas repelentes a tinta, e durante a
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impressdo driografica somente a tinta ¢é alimentada a

matriz.
As matrizes ou masters de impressdo sdo de um

modo geral obtidos pelo chamado método de computador para
filme (CtF - Computer to Film), em que vArias etapas pré-
impressdo, tais como a selecdo de tipo e tamanho da fonte,
escaneamento, separagdo de cores, filtracdo, trapping,
layout e superposicgdo, sdo efetuadas digitalmente e cada
selecdo de cor ¢é transferida para um filme para artes
graficas wusando-se um compositor de imagens. Apds o
processamento, o filme pode ser usado como uma mascara para
a exposicdo de um material de imageamento denominado como
precursor de placa e apds o processamento da placa, é
obtida uma placa de impressdo que pode ser usada como um
master. Desde cerca de 1995, o chamado método “computador
para placa” (CtP) ganhou muito interesse. Tal método,
também denominado como “direto para placa”, evita a criacdo
de um filme pois o documento digital ¢é transferido
diretamente para um precursor de placa de impressdo por
meio de um chamado compositor de placa. Um precursor de
placa de impressdo para o CtP é freqgientemente designado
como uma placa digital.

As placas digitais podem ser, grosso modo,
divididas em trés categorias: (i) placas de prata, que
funcionam de acordo com o mecanismo de transferéncia por
difusdo do sal; (ii) placas de foto polimero, que contém
uma composicdao foto polimerizadvel que endurece gquando de
sua exposicdo a luz; e (iii) placas térmicas, cujo
mecanismo de imageamento é acionado por calor ou por
conversao luz para calor. As placas térmicas séao
sensibilizadas principalmente para lasers infravermelho com
emissdo em 830 nm ou 1064 nm. Os foto polimeros podem ser
sensibilizados para luz azul, verde ou vermelha (isto é, a

faixa de comprimentos de onda entre 450 e 750 nm), para luz
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violeta (isto €, a faixa de comprimentos de onda entre 350
e 450 nm), ou para luz infravermelho (isto é, a faixa de
comprimentos de onda entre 750 e 1500 nm). As fontes laser
véem sendo cada vez mais usadas para expor um precursor de
placa de impressdao que estd sensibilizado para um
comprimento de onda correspondente de laser. Tipicamente,
podem ser usados um laser de Ar (488 nm) ou um laser FD-YAG
(532 nm) para exXpor uma placa de foto polimero
sensibilizado para a luz visivel. A ampla disponibilidade
de diodos de laser azul ou violeta de baixo custo,
originalmente desenvolvidos para armazenamento de dados por
meio de DVD, permitiu a produgdo de compositores de placas
operando em comprimentos de onda mais <curtos. Mais
especificamente, foram produzidos lasers de semicondutores
com emissdo de 350 a 450 nm usando-se um material de
In/Ga/N. Podem também ser usados um diodo de laser
infravermelho, emitindo em torno de 830 nm, ou um laser Nd-
YAG emitindo em torno de 1060 nm.

Tipicamente, uma placa de foto polimero
compreende um suporte, um revestimento foto polimerizéavel e
um revestimento de topo ou “overcoat”. O revestimento foto
polimerizavel compreende um composto polimerizavel, um
iniciador de polimerizagdo e um ligante, enquanto o
overcoat wusualmente compreende um ligante de &lcool
polivinilico para retardar a penetracdo de oxigénio no
revestimento. Quando da exposicdo a imagem, radicais livres
formados pelo iniciador ndo s&o desativados pelo oxigénio e
podem dar inicio & reticulacdo e/ou polimerizacdo do
composto polimerizavel, resultando no endurecimento ou cura
das é&reas expostas. O precursor exposto ¢é usualmente
processado em um revelador alcalino possuindo um pH acima
de 10, pelo que o overcoat e o revestimento foto
polimerizavel nas &reas ndo expostas sdo solubilizados na
solugdo do revelador. A US 2004/0 131 974 descreve um

método para a producdo de tal placa para impresséo
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litografica no qual, apds a exposig¢do a imagem, o overcoat
€ removido com agua em uma etapa de pré-lavagem, resultando
em uma redugao da formagdo de sedimentos na solucgdo
alcalina de revelagdo, o que impede a formacdo de manchas
nas partes ndo imageadas.

Atualmente, a maioria das placas litograficas
comerciais demandam um processo de gomagem adicional apéds
as placas expostas serem reveladas e antes que sejam
colocadas na prensa, de modo a proteger a placa contra
contaminacgao, por exemplo  por oxidacgédo, impressdes
digitais, gorduras, &éleo, ou pd, ou contra danos, por
exemplo por arranhSes durante o manuseio da placa. Tal
etapa de gomagem adicional ndo é conveniente para o usudrio
final, pois ela é uma etapa demorada e que demanda um posto
de gomagem adicional.

O documento WO 02/101 469 descreve um método para
processamento de um elemento imagedvel Gtil como um
precursor de placa para impressdo litogrdfica que pode ser
revelado em meio alcalino, em que o elemento é revelado e
gomado com uma solugdo reveladora / de gomagem aquosa
alcalina que compreende um composto poli-hidroxilico
soluvel em &gua que possul uma estrutura especifica.

O documento EP 1 342 568 descreve um método para
a produg¢do de uma placa para impressdo litografica sensivel
ao calor, em que o precursor de imageamento aquecido,
compreendendo um revestimento de particulas de polimero
termoplastico hidrofébicas que coalescem sob aquecimento, é
revelado por meio de uma solucdo de goma. Uma modalidade
pratica para tal tipo de placas de impressdo foi
introduzido pela Agfa sob a marca comercial Azura.

Nos documentos US 6 027 857, US 6 171 735, US 6
420 089, US 6 071 675, US 6 245 481, US 6 387 595, US 6 482
571, US 6 576 401 e US 6 548 222, é descrito um método para
a preparacao de uma placa para impressdo litografica em que

uma placa de foto polimero, apds a exposicdo a uma imagem,
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€ montada em uma prensa e processada na prensa para a
aplicacao de tinta e fonte para remover do suporte as areas
nao expostas. Além disso, os documentos US 2003/16 577 e US
2004/13 968 descrevem um método em que uma placa
compreendendo uma camada foto polimerizavel pode ser
processada em um processamento em prensa com fonte ou
tinta, ou com um revelador aquoso ndo alcalino. Um composto
promotor de adesdo também pode ser adicionado ao precursor
de placa de impressdo para melhorar a capacidade de
revelacdo do processamento em prensa e para melhorar a
durabilidade da placa no processo de impressao.
Tipicamente, tais compostos apresentam uma ligagéo
etilenicamente insaturada e um grupo funcional capaz de
adsorgdo a superficie do suporte. Outros compostos e
polimeros podem ser usados como um composto promotor da
adesdo. O composto pode estar presente na camada foto
polimerizavel ou em uma camada intermedidria entre o
suporte e a camada foto polimerizavel, tal como descrito
nos documentos EP 851 299, EP 1 091 251, US 2004/214 105,
EP 1 491 356, US 2005/39 620, EP 1 495 866, EP 1 500 4098,
EP 1 520 694 e EP 1 557 262.

Um primeiro problema associado ao processamento
em prensa de tais placas de impressdo de foto polimero
consiste da auséncia de estabilidade & 1luz do dia, isto §&,
a imagem ndo € estdvel antes do processamento e, portanto,
a placa exposta deve ser processada dentro de um curto
periodo apdéds a exposicdo. No entanto, dado que o
processamento em prensa nao é possivel durante um trabalho
de impressdo, o wusudrio final deve aguardar até que o
trabalho de impressdo anterior tenha sido completado antes
que a placa exposta possa ser montada na prensa e
processada. Como resultado, a exposicdo da placa para o
trabalho de impressdo seguinte deve ser retardada até
imediatamente antes da finalizacdo do trabalho de impress&o

anterior, de modo a evitar que a placa ndo processada seja
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afetada pela luz ambiente. Alternativamente, a placa
exposta deve ser mantida sob condig¢des seguras no que diz
respeito a luz; isto porém, novamente, reduz a facilidade
de uso e conveniéncia normalmente associadas, por exemplo,
as placas de foto polimero sensiveis ao violeta e
infravermelho.

Um segundo problema ainda ndo solucionado na
técnica anterior das placas de foto polimero que podem ser
processadas na prensa consiste da auséncia de uma imagem
visivel entre a exposicdo e o processamento. Apesar de ser
conhecido o recurso de se adicionar um corante ao
revestimento foto sensivel, de forma a se obter uma imagem
visivel apds a remogdo das 4areas ndo expostas do
revestimento pelo processamento, isto nao permite
distinguir uma placa exposta de uma placa ndo exposta
imediatamente apdés a exposicdo & imagem, muito menos
inspecionar a qualidade da imagem apds a exposicdo, pois a
imagem visivel somente é revelada apdés o processamento na
prensa. Ademais, as placas que podem ser processadas na
prensa normalmente ndo contém um corante, pois a remoc¢do na
prensa das Aareas ndo impressoras do revestimento pode
causar contaminacdo da solugdo fonte e/ou da tinta, podendo
ser necessario um nuUmero inaceitavel de cdépias impressas
antes que a contaminagdo pelo corante tenha desaparecido.

Um terceiro problema associado com o
processamento na prensa com fonte e tinta €& o de uma
limpeza insuficiente das &reas ndo expostas.

No pedido de patente nao publicado
PCT/EP/2005/052 298, depositado em 18 de maio de 2005, ¢é
descrito um método para a producdo de uma placa para
impressdo litogrdfica em que o precursor exposto a imagem é
revelado com uma solugdo de gomagem.

RESUMO DA INVENCAO
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Constitui um objetivo da presente invencdo prover
um método para a produgdo de uma placa para impressdo
litografica por meio de um precursor de placa de foto
polimero, o qual é visto pelo usudrio como um método que
nao requer uma etapa de processamento e em que a placa
exposta pode ser mantida na luz ambiente durante um tempo
ilimitado antes de ser montada na prensa. Tal objetivo é
alcancado pelo método definido na reivindicacdo 1, que
possui a caracteristica especifica de que o precursor de
placa exposto a imagem é aquecido em uma unidade de pré-
aquecimento dentro de um periodo de tempo menor que 10
minutos apds a exposigdo & imagem, sendo tratado com uma
solugcdo de goma em uma estagdo de gomagem compreendendo
pelo menos uma unidade de gomagem, pelo que a placa ou
chapa € revelada e gomada em uma Unica etapa. Uma vez que a
placa €& revelada e gomada, a imagem litografica ndo pode
mais ser afetada pela luz ambiente. Ao contrdrio, uma
exposicdo adicional a luz do dia iria apenas aumentar o
grau de polimerizagdo das A4reas expostas, isto &, iré
reforcar, em lugar de deteriorar, a imagem. Além disso, a
Requerente observou que, pelo aquecimento do precursor em
uma unidade de pré-aquecimento dentro de um periodo de
tempo menor que 10 minutos apds a exposicdo a imagem, a
estabilidade da imagem latente é melhorada, resultando na
reproducdo de imagens de alta resolucéo.

Constitui outro objetivo da presente invencéao
propiciar um método para a produgcdo de uma placa para
impressdo litografica por meio de um precursor de placa de

foto polimero, o qual é visto pelo usudrio como um método
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que nao requer uma etapa de processamento e em que a placa
exposta pode ser mantida na luz ambiente durante um tempo
ilimitado antes de ser montada na prensa, e em que ¢&
provida uma imagem visivel antes da montagem da placa na
prensa. Tal objetivo é alcancado pela adicdo de um corante
ao revestimento da placa de foto polimero. Dado que as
areas ndo impressoras do revestimento sdo removidas nas
unidades de gomagem, n&o existe risco de contaminacido da
solugcao fonte ou da tinta durante o inicio do trabalho de

impresséo.
Outras modalidades especificas da invengdo estéao

definidas nas reivindicac¢des dependentes.

DESCRIGCAO DETALHADA DA INVENCAO

De acordo com a presente invencdo, é provido um
método para a produgdo de uma placa para impressao
litografica, compreendendo as etapas de:

(a) prover um precursor de placa de impressao
litografica compreendendo:

(1) um suporte que possuli uma superficie
hidrofilica ou que estd provido com uma camada hidrofilica,

(ii) umnm revestimento sobre '} suporte,
compreendendo uma camada foto polimerizavel e,
opcionalmente, uma camada intermedidria entre a camada foto
polimerizavel e e} suporte, em que a camada foto
polimerizavel compreende um composto polimerizavel, um
iniciador de polimerizagdo e um ligante;

(b) expor o revestimento a uma imagem por meio de

um laser em um compositor de placa;
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(c) agquecer o precursor em uma unidade de pré-
aquecimento dentro de um periodo de tempo menor do que 10
minutos apds a etapa (b);

(d) tratar o precursor em uma unidade ou estacédo
de gomagem, compreendendo pelo menos uma unidade de
gomagem, pelo gque uma solugdo de goma ¢é aplicada ao
precursor, desse modo aplicando uma solucdo de goma ao
precursor, desse modo removendo do suporte 4&reas nao
expostas da camada foto polimerizdvel e gomando a placa em
uma Unica etapa.

Na presente invengdo, o precursor de placa de
impresséo é expésto a imagem fora da impressora por meio de
um compositor de placa, isto é, um equipamento de exposicdo
a laser adequado para a exposigcdo de um precursor a
imagens. O precursor usado no método da presente invencdo é
do tipo negativo funcional, isto é, as Areas expostas do
revestimento s&o endurecidas ou curadas. Aqui, o termo
“endurecida/o” significa que o revestimento se torna
insoluvel ou ndo dispersdvel para a solucdo de gomagem O
que pode ser conseguido através de polimerizacdo e/ou
reticulacdo do revestimento.

Apbés o imageamento, o precursor de placa ¢é
aquecido, o que serd a sequir designado como “pré-
aquecimento”, para promover ou acelerar a reacdo de
polimerizacéao e/ou reticulacgéo. Tal etapa de pré-
aquecimento é efetuada dentro de um periodo de tempo menor
que 10 minutos, de preferéncia menor que 5 minutos, mais
preferivelmente menos que 1 minutos, ainda mais

preferivelmente o pré-aquecimento sendo efetuado
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imediatamente apds a exposicdo a imagem, isto &, dentro de
menos que 30 segundos. Ndo existe qualquer limite de tempo
antes que o0 aquecimento possa ser iniciado, porém o
precursor é aquecido tdo logo possivel apbdés a exposicdo,
usualmente apds alguns segundos para o transporte da placa
para a unidade de pré-aquecimento e iniciar o processo. Em
tal etapa de aquecimento, o precursor é aquecido a uma
temperatura de preferéncia entre 80 °C e 150 °C e durante
um tempo de residéncia de preferéncia de 5 segundos a 1
minuto. A unidade de pré-aquecimento estd de preferéncia
provida com elementos de aquecimento tais como la&mpadas ir,
lampadas UV, ar aquecido, um cilindro de metal aquecido,
etc.

Subseqglentemente & etapa de pré-aguecimento, o
precursor de placa é tratado, isto é, revelado e gomado, em
uma estagdo de gomagem gque compreende pelo menos uma
unidade de gomagem, de preferéncia duas unidades de
gomagem, ou seja uma primeira e uma segunda unidades de
gomagem. Nas unidades de gomagem, uma solucdo de gomagem é
aplicada ao revestimento do precursor, pelo que as &reas
ndo expostas da camada foto polimerizidvel sdo removidas do
suporte, ficando a superficie hidrofilica do suporte nas
areas ndo expostas protegidas por adsorcdo da goma em uma
unica etapa. Quando o precursor é tratado com uma solucdo

de goma primeiramente em uma primeira unidade de gomagem e

[ON

subseqiientemente em uma segunda unidade de gomagem,
obtido wum beneficio adicional pelo que ¢é reduzida a
contaminagcdo da solucdo de goma da segunda unidade de

gomagem, pelo que pode ser reduzido ou inibido um aumento
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da viscosidade da solugdo de goma da segunda unidade de
gomagem e retardada ou inibida a formacdo de sedimentos na
segunda unidade de gomagem. Isto resulta em uma melhor vida
util da solucdo de goma da segunda unidade de gomagem, pelo
que tal solugcdo de goma, opcionalmente combinada com
regeneracdo (por exemplo, por filtracdo) e/ou adigdo de
solucdo de reposicdo, pode ser usada para revelar e gomar
um maior numero de placas o que propicia economia de custos
e é melhor para o meio ambiente.

A revelagdo com uma solugdo de goma apresenta o
beneficio adicional de que, devido & goma remanescente na
placa nas areas ndo expostas, nao é necessaria uma etapa de
gomagem adicional para proteger a superficie do suporte nas
dreas ndo expostas. Como resultado, o precursor &
processado e gomado em uma Unica etapa e a imagem
litografica obtida sobre a placa ndo serd afetada pela luz
do ambiente ou por contaminacéo.

Na etapa de impressdo, a placa é montada sobre o
cilindro da platina da prensa de impressido e o processo de
impressdo € iniciado.

A solugdo de goma.

Uma solucdo de goma consiste tipicamente de um
liquido aquoso que compreende um ou mais compostos
protetores de superficie que sdo capazes de proteger a
imagem litografica de wuma placa de impressdo contra
contaminacao, por exemplo por oxidacéo, impressdes
digitais, gorduras, o6éleo, ou pd, ou contra danos, por
exemplo por arranhdes durante o manuseio da placa. Os

exemplos adequados de tais compostos incluem polimeros
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hidrofilicos formadores de filme ou tenso ativos. A camada
que permanece sobre a placa apdés o tratamento com a solucgao
de goma compreende de preferéncia entre 0,005 e 20 g/m® do
composto protetor de superficie, mais preferivelmente entre
0,010 e 10 g/mz, ainda mais preferivelmente entre 0,020 e 5
g/m?.

Na presente descrig¢do, todas as concentracdes de
compostos presentes na solugdo de goma sdo expressadas na
forma de percentuais em peso (% em peso ou % p/p) em
relagcdao a solugdo de goma pronta para uso, a menos de
indicagdo em contrario. Uma solucdo de goma pode ser
normalmente fornecida na forma de uma solucdo concentrada,
a qual ¢é diluida pelo usuidrio final com &gua até uma
solugdo de goma pronta para uso antes de sua utilizacdo de
acordo com as instrugdes do fornecedor, usualmente de 1
parte da goma diluida com 1 a 10 partes de &gua.

Os polimeros preferidos para uso como o composto
protetor na solugcdo de goma incluem a goma ardbica,
Pullulan, derivados de celulose tais como a carboxi metil
celulose, carboxi etil <celulose, ou metil <celulose,
(ciclo)dextrina, dlcool polivinilico, polivinil
pirrolidona, polissacaridios, homo e copolimeros do &cido
acrilico, &cido metacilico ou acrilamida, um copolimero de
éter vinil metilico e anidrido maléico, ou um copolimero de
estireno e anidrido maléico. S3do polimeros altamente
preferidos os homo ou copolimeros de mondmeros contendo
grupos carboxilicos, sulfénicos,ou fosfdénicos, ou os sais
dos mesmos, por exemplo o acido (met)acrilico, acetato de

vinila, A&cido estireno sulfénico, &cido wvinil sulfédénico,
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4dcido wvinil fosfdénico, ou Aacido acrilamido propano
sulfdnico.

Os exemplos de tenso ativos para uso como ©O
agente protetor de superficie incluem tenso ativos
anidénicos ou ndo idnicos. A solucdo de goma pode também
incluir um ou mais dos polimeros hidrofilicos acima como o
agente protetor de superficie e, além destes, um ou mais
tenso ativos para melhorar as propriedades superficiais da
camada revestida. A tensdo superficial da solucdo de goma é
de preferéncia de 20 a 50 mN/m.

A solugdo de goma compreende de preferéncia um
tenso ativo anidnico cujo grupo anidénico é um grupo de
acido sulfdnico.

Os exemplos de tenso ativos aniénico incluem
alifatos, abietatos, hidroxi alcano sulfonatos, alcano
sulfonatos, dialquil sulfo succinatos, alquil benzeno
sulfonatos de cadeia linear, alquil benzeno sulfonatos
ramificados, alquil naftaleno sulfonatos, alquil fenoxi
polioxi etileno propil sulfonatos, sais de éteres polioxi
etileno alquil sulfofenilicos, N-metil N-oleil tauratos de
sédio, mono amida N-alquil sulfo succinatos dissédicos,
sulfonatos de petrdleo, 6leo de mamona sulfatado, déleo de
gordura sulfatado, sais de ésteres sulfuricos de alquil
ésteres alifaticos, sais de ésteres alquil sulfuaricos,
ésteres sulfuricos de éteres polioxi etileno alquilicos,
sais de ésteres sulfdricos de éteres polioxi etileno
estiril fenilicos, sais de ésteres alquil fosfdéricos, sais
de ésteres fosféricos de éteres polioxi etileno alquilicos,

sais de ésteres fosféricos de éteres polioxi etileno alquil
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fenilicos, compostos parcialmente saponificados de
copolimeros de anidrido estireno maléico, compostos
parcialmente saponificados de copolimeros de olefinas e
anidrido maléico, e condensados de naftaleno sulfonato de
formalina. S&do particularmente preferidos entre tais tenso
ativos anidnicos os dialquil sulfosuccinatos, os sais de
ésteres alquil sulfuricos e os alquil naftaleno sulfonatos.

Exemplos especificos de tenso ativos anidnicos
incluem o dodecil fenoxi benzeno disulfonato de sdédio, os
sais de sbédio de naftaleno sulfonatos alquilados, o
metileno dinaftaleno disulfonato dissédico, o dodecil
benzeno sulfonato de sédio, 6éxidos de alquil difenila
sulfonados, perflidor alquil sulfonato de amdénio ou
potassio, e o dioctil sulfosuccinato de sédio.

Exemplos adequados de tenso ativos ndo idénicos
incluem éteres polioxi etileno alquilicos, éteres polioxi
etileno alquil arilicos em que o grupo arila pode ser um
grupo fenila, um grupo naftila, ou um grupo aromatico
heterociclico, éteres polioxi etileno polistiril fenilicos,
éteres polioxi etileno polioxi propileno alquilicos,
polimeros em bloco de polioxi etileno e polioxi propileno,
ésteres parciais de A&cidos glicerino alifaticos, ésteres
parciais de acido sorbitano alifaticos, ésteres parciais de
acido pentaeritritol alifdtico, ésteres de propileno glicol
mono alifatico, ésteres parciais de 4cidos sacarose
alifaticos, ésteres parciais de 4&cido polioxi etileno
sorbitol alifaticos, ésteres polioxi etileno glicol
alifaticos, ésteres parciais de 4cidos poliglicerino

alifaticos, 6leos de mamona polioxi etilenados, ésteres
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parciais de &cidos polioxi etileno glicerino aliféaticos,
dietanol amidas alifaticas, N,N-bis-2-hidroxi alquil
aminas, polioxi etileno alquil aminas, ésteres trietanol
amina alifaticos, e o6xidos de trialqul amina. Dentre tais
tenso ativos nao idnicos s&o particularmente preferidos os
éteres polioxi etileno alquil fenilicos, os éteres polioxi
etileno alquil naftilicos e os copolimeros em bloco de
polioxi etileno e polioxi propileno. Além disso, podem
também ser usados tenso ativos anidénicos e ndo idnicos
fluorados e siliconados.

Dois ou mais dos tenso ativos acima podem ser
usados em combinacdo. Como exemplo, pode ser preferida uma
combinagcdo de dois ou mais tenso ativos anidénicos, ou uma
combinagdo de um tenso ativo anidnico e um tenso ativo néao
idnico. A quantidade de tal tenso ativo ndo esta
especificamente limitada, porém é de preferéncia de 0,01 a
30 % em peso, mais preferivelmente de 0,05 a 20 % em peso.

De acordo com a presente invencdo, a solucéao
possui de preferéncia um pH entre 3 e 9, mais
preferivelmente entre 4,5 e 8,5, ainda mais preferivelmente
entre 5 e 7. O pH da solugdo de goma é usualmente ajustado
com um &cido mineral, um A&cido organico, ou um sal
inorgénico, em uma quantidade de 0,01 a 15 % em peso, de
preferéncia de 0,02 a 10 % em peso. Os exemplos dos &cidos
minerais incluem o &cido nitrico, 4&cido sulfurico, &cido
fosférico e &cido metafosférico. Sdo usados especialmente
acidos orgénicos como agentes de controle de pH e como
agentes dessensibilizantes. Os exemplos de acidos orgdnicos

incluem 4&cidos carboxiclicos, &cidos sulfénicos, &cidos
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fosfdnicos, ou sais de tais, por exemplo succinatos,
fosfatos, fosfonatos, sulfatos e sulfonatos. Exemplos
especificos dos acidos orgdnicos incluem o &acido citrico,
acido acético, éacido oxdlico, 4&cido malénico, é&cido p-
tolueno sulfdnico, 4&cido tartérico, &cido malico, &cido
latico, é&cido levulinico, &cido fitico, e &cido fosfénico
orgénico.

A solugcdo de goma de preferéncia compreende
também um sal inorganico. Os exemplos de sais inorgénico
incluem o nitrato de magnésio, fosfato monobdsico de sédio,
fosfato dibéasico de sdédio, sulfato de niquel,
hexametafosfato de sdédio e tripolifosfato de sédio. Um
dihidrogeno fosfato de metal alcalino, tal como o KH,PO, ou
NaH,PO4 €& preferido. Outros sais inorgdnicos podem ser
usados como agentes de inibigdo de corrosdo, por exemplo o
sulfato de magnésio ou o nitrato de zinco. O &cido mineral,
o é&cido orgédnico, ou o sal inorgdnico podem ser usados
isoladamente ou em combinag¢do com um ou mais deles.

De acordo com outra modalidade da presente
inveng¢ao, a solugdo de goma como revelador no processamento
da placa compreende de preferéncia uma mistura de um tenso
ativo anidnico e um sal inorgdnico. Em tal mistura, o tenso
ativo aniénico é de preferéncia um tenso ativo anidnico com
um grupo de acido sulfdénico, mais preferivelmente um sal de
metal alcalino de um &cido sulfénico e éter difenilico mono
ou dialquil substituido, e o sal inorgdnico é de
preferéncia um sal de fosfato mono ou dibédsico, mais
preferivelmente um dihidrogeno fosfato de metal aicalino,

ainda mais preferivelmente o KH;PO; ou NaH,POj,.
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De acordo com outra modalidade da presente
invencdo, a solugdo de goma compreendendo uma mistura de um
tenso ativo anidnico e wum sal inorgdnico possui de
preferéncia um pH entre 3 e 9, mais preferivelmente entre 4
e 8, ainda mais preferivelmente entre 5 e 7.

Além dos componentes acima, pode também estar
presente na solug¢dao de goma um agente umectante, tal como o
etileno glicol, propileno glicol, trietileno glicol,
butileno glicol, hexileno glicol, dietileno glicol,
dipropileno glicol, dipropileno glicol, glicerina,
trimetilol propano e diglicerina. O agente umectante pode
ser usado isoladamente ou em combinacdo de um ou mais de
tais. De um modo geral, o agente umectante acima mencionado
¢ de preferéncia usado em uma quantidade de 1 a 25 % em
peso.

Além disso, pode estar presente na solucdo de
goma um composto quelante. Ions de calcio e outras
impurezas contidos na 4&gqgua de diluicdoc podem exercer
efeitos adversos sobre a impressdo, podendo causar a
contaminacdo da matéria impressa. Tal problema pode ser
eliminado pela adigdo de um composto quelante a A&agua de
diluigdo. Os exemplos preferidos de tal composto quelante
incluem 4&cidos fosfénicos orgédnicos ou A&cidos fosfono
alcano tricarboxilicos. Exemplos especificos incluem os
sais de sédio ou potdssio do 4acido etileno diamino
tetracético, &cido dietileno triamino pentacético, acido
trietileno tetramino hexacético, &cido hidroxi etil etileno
diamino triacético, é&cido nitrilo acético, &cido l-hidroxi

etano 1,1-difosfénico e &acido amino tri(metil fosfdénico).
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Além de tais sais de sédio ou potassio de tais agentes
quelantes, sdo uteis sais orgédnicos de amina. A quantidade
a ser adicionada preferida de tal agente quelante fica
entre 0,001 e 5 % em peso em relagdo a solucdo de goma na
forma diluida.

Além disso, podem estar presentes na solucdo de
goma um anti-séptico e um agente anti-espumante. Os
exemplos do anti-séptico incluem o fenol, seus derivados,
formalina, derivados de imidazola, dihidro acetato de
sbédio, derivados de 4-isotiazolin-3-ona, benzo isotiazolin-
3-ona, derivados de benztriazola, derivados de amidina
guanidina , sais de amdénio quaternadrios, derivados de
piridina, derivados de quinolina, derivados de guanidina,
diazina, derivados de triazola, derivados de oxazina e
oxazola. A quantidade preferida a ser adicionada de tal
anti-séptico é tal que ela possa exercer um efeito estéavel
sobre bactérias, fungos, leveduras,ou similares. Dependendo
do tipo de Dbactérias, fungos e leveduras ela ¢é de
preferéncia de 0,01 a 4 $ em peso em relacdo a solucdo de
goma na forma diluida. Além disso, de preferéncia, podem
ser usados dois ou anti-sépticos em combinacdo para exercer
um efeito anti-séptico sobre varios fungos e bactérias. O
agente anti-espumante ¢é de preferéncia um agente anti-
espumante de silicone. Dentre tais agentes anti-espumantes,
pode ser usado um agente anti-espumante do tipo de
dispersdo por emulsdo ou do tipo solubilizado. A quantidade
apropriada a ser adicionada de tal agente anti-espumante é
de 0,001 a 1,0 % em peso em relagdo a solucdo de goma na

forma diluida.
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Além dos componentes acima, um agente de
receptividade de tinta pode estar presente na solucdo de
goma caso desejado. Os exemplos de tal agente de
receptividade incluem o &leo de terebintina, xileno,
tolueno, heptanos inferiores, nafta solvente, querosene,
6leos minerais, hidrocarbonetos tais como uma fracdo de
petréleo possuindo um ponto de ebulicdo de cerca de 120 °C
a cerca de 250 °C, ftalatos de diésteres (por exemplo,
ftalato de dibutila, ftalato de diheptila, ftalato de di-n-
octila, ftalato de di(2-etil hexila), ftalato de dinonila,
ftalato de didecila, ftalato de dilaurila, ftalato de butil
benzila), ésteres alifaticos dibésicos (por exemplo,
adipato de dioctila, glicol adipato de butila, azelato de
dioctila, sebacato de dibutila, sebacato de di(2-etil
hexila), sebacato de dioctila), trigliceridios epoxidados
(por exemplo, 6leo de soja epoxidado), éster fosfatos (por
exemplo, fosfato de tricresila, fosfato de trioctila,
fosfato de tris cloro etila), e plastificantes possuindo um
ponto de solidificacdo de 15 °C ou menos e um ponto de
ebuligdo de 300 °C ou mais na pressdo atmosférica, tais
como ésteres de benzoatos (por exemplo, benzoato de
benzila). Os exemplos de outros solventes que podem ser
usados em combinacdo com tais solventes incluem cetonas
(por exemplo, a ciclohexanona), hidrocarbonetos halogenados
(por exemplo, dicloreto de etileno), éteres de etileno
glicol (por exemplo, éter etileno glico monometilico, éter
etileno glicol monofenilico, éter etileno glicol
monobutilico), 4cidos alifaticos (por exemplo, &cido

caprdico, acido enatico, acido caprilico, acido
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pelargdnico, acido caprico, acido undecilico, acido
laurico, acido tridecilico, acido miristico, acido
pentadecilico, &cido palmitico, &cido heptadecilico, &cido
estedrico, acido nonadecénico, acido araquico, acido
behénico, acido lignocérico, acido cerdtico, acido
heptacosandéico, &cido montdnico, &cido melissico, 4&cido
lacérico, acido isovalérico) e acidos alifaticos
insaturados (por exemplo, &acido acrilico, &cido croténico,
acido isocroténico, &cido undeciclico, &cido oléico, &cido
elaidico, &cido cetoléico, &cido erucico, &acido butecidico,
acido soérbico, A&cido 1linoléico, 4&cido linolénico, &cido
araquiddnico, &acido propiblico, é&cido esteardlico, &cido
clupanoddnico, &cido taririco, &cido licdnico). Ele é de
preferéncia um 4&cido alifdtico que é 1liquido em uma
temperatura de 50 °C, mais preferivelmente possui de 5 a 25
dtomos de carbono, ainda mais preferivelmente possui de 8 a
21 &tomos de carbono. O agente de receptividade de tinta
pode ser usado isoladamente ou em combinacdo com um ou mais
de tais. O agente de receptividade de tinta ¢é de
preferéncia usado em uma quantidade de 0,01 a 10 % em peso,
mais preferivelmente de 0,05 a 5 % em peso. O agente de
receptividade de tinta acima pode estar presente na forma
de uma emulsdo 6leo em &gua, ou ode ser solubilizado com a
ajuda de um agente solubilizante.

A viscosidade da solugdo de goma pode por exemplo
ser ajustada para um valor entre 1,7 e 5 mPa.s, pela adicao
de compostos elevadores da viscosidade, tais como um
poli (6éxido de etileno) ou poli(dlcool wvinilico), por

exemplo possuindo um peso molecular entre 10% e 10’. Tais
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compostos podem estar presentes em uma concentracdo de 0,01
a 10 g/1.

Uma goma de cura ou cozimento possui uma
composicédo similar aquela acima descrita, com uma
preferéncia adicional para compostos que nido evaporem nas
temperaturas de cozimento usuais. As solugdes de goma de
cozimento ou solugdes de gomagem de cozimento podem ser
solucdes aquosas de dodecil fenoxi benzeno disulfonato de
sédio, é&cido naftaleno sulfénico alquilado, difenil oéxido
de alquila sulfonado, &4cido metileno dinaftaleno sulfénico,
etc. Outras solugbes de gomagem contém um componente de
polimero hidrofilico e um componente de &cido organico.
Mais outras solugdes de gomagem de cozimento contém o sal
de potéssio do &cido hidroxi etilideno difosfénico. Mais
outras solugdes de gomagem de cozimento contém um composto
de sulfo succinamato e &cido fosférico.

O éangulo de contato entre a solucdo de goma de
cozimento e a placa é de preferéncia reduzido pela adicédo
de pelo menos um tenso ativo. Os tenso ativos preferidos
sdo poliglicdéis n&o 1idénicos e acrilatos de poliéster
alifaticos perfluorados.

Em outra modalidade, as solucbdes de gomagem de
cozimento compreendem (a) &gua, (b) pelo menos um polimero
hidrofilico e (c) pelo menos um componente selecionado
dentre o grupo constituido por acidos orgadnicos soluveis em
agua compreendendo pelo menos duas funcdes Aacido e sendo
selecionados dentre o grupo constituido por um 4&cido
benzeno carboxilico, um &cido benzeno sulfdénico, um &acido

benzeno fosfénico, um &cido alcano fosfénico e sais de tais
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soluveis em agua. Os compostos (b) e (c) acima mencionados
que sdo dissolvidos na solugdo aquosa de acordo com a
presente invencao s&o tais que eles ndo evaporam nas
temperaturas costumeiras de cozimento. A camada protetora
que ¢é formada permanece soluvel em &gua, mesmo apds o
cozimento, e pode ser prontamente removida sem danificar a
placa de impresséao.

O componente (b) compreende em particular os
seguintes polimeros hidrofilicos: N-polivinil pirrolidona,
éter polivinil metilico, copolimeros contendo unidades de
etileno e unidades de anidrido maléico, homopolimeros ou
copolimeros contendo unidades de &cido vinil fosfénico,
unidades de &cido vinil metil fosfinico e/ou unidades de
acido acrilico e/ou um polialquileno glicol, tal como o
polietileno glicol.

O componente (c) compreende em particular: &cidos
benzeno disulfénicos, acidos benzeno policarboxilicos
possuindo de 3 a 6 grupos carboxila, 4&cidos alcano
difosfdnicos possuindo de 1 a 3 atomos de carbono no grupo
alcano, acidos alcano difosfdnicos contendo grupos
carboxila que possuem de 5 a 9 Atomos de carbono no grupo
alcano, e/ou um dos sais soluveis em &agua de tais &cidos
(de preferéncia sais de metais alcalinos ou sais de
aménio) . Exemplos especificos do componente (c) incluem o
acido benzeno 1,3-disulfénico, o &cido benzeno 1,2,4-
tricarboxilico (4cido trimelitico), e} acido benzeno
1,2,4,5-tetracarboxilico (Acido piromelitico), o &cido
benzeno hexacarboxilico (4cido melitico), o &cido metano

difosfdénico (difosfono metano), o &cido 4,4-difosfono
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heptano 1,7-didico (&cido 3,3-difosfono piméico), e os sais
de sdédio de tais &cidos. Em outras modalidades, a solucédo
de goma de cozimento pode conter adicionalmente A&cidos
hidroxi policarboxilicos, tais como o &cido citrico e/ou
seus sais, alcano didis soliveis em &gua possuindo pelo
menos 4 atomos de carbono, tais como o 1,6-hexano diol, e
tenso ativos (de preferéncia tenso ativos anidnicos ou né&o
idénicos) tais como alquil aril sulfonatos, alquil fenol
éter sulfonatos, e um tenso ativo natural (por exemplo,
Saponin). Exemplos especificos de solucdes de goma de
cozimento e ingredientes adequados e suas concentracdes
podem ser encontrados por exemplo nos documentos EP-A 222
297, EP-A 1 025 992, DE-A 2 626 473 e US 4 786 581.
O suporte

Um suporte litografico particularmente preferido
consiste de um suporte de aluminio anodizado e granulado
eletroquimicamente. A granulagdo e anodizacdo de suporte de
aluminio s&o bem conhecidas. O &4cido usado para a
granulacao pode ser, por exemplo o acido nitrico ou o &acido
sulfarico. O &cido usado para a granulacdo compreende de
preferéncia cloreto de hidrogénio. Podem também ser usadas
misturas, por exemplo, de cloreto de hidrogénio e &cido
acético. E bem conhecida a relacdo entre os parédmetros de
granulagdo e anodizagdo eletroquimicas, tais como a
voltagem dos eletrodos, natureza e concentracao do
eletrélito acido, ou consumo de energia, por um lado e a
qualidade litografica obtida em termos de Ra e peso andédico
(g/m* de Al,0; formado sobre a superficie de aluminio) por

outro. Mais detalhes sobre a relagcdo entre varios
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parametros de producdo e o Ra e o peso andédico podem ser
encontrados, por exemplo, no artigo “Management of Change
in the Aluminum Printing Industry”, de F. R Mayers,
publicado no ATB Metallurgie Journal, volume 42, N2 1-2
(2002), péagina 69.

O suporte de aluminio anodizado pode ser
submetido a um chamado tratamento pés-andéddico para melhorar
as propriedades hidrofilicas de sua superficie. Como
exemplo, o suporte de aluminio pode ser siliconizado por
tratamento de sua superficie com uma solucdo de silicato de
sédio em temperatura elevada, por exemplo a 95 °C.
Alternativamente, pode ser aplicado um tratamento com
fosfato, que envolve o tratamento da superficie de éxido de
aluminio com uma solugdo de fosfato que pode também conter
um fluoreto inorganico. Além disso, a superficie de 6xido
de aluminio pode ser rinsada com uma solucdo de &cido
citrico ou citrato. Tal tratamento pode ser efetuado na
temperatura ambiente, ou pode ser efetuado em uma
temperatura ligeiramente elevada de cerca de 30 a 50 °C.
Outro tratamento interessante envolve rinsar a superficie
de 6xido de aluminio com uma solucdo de bicarbonato. Mais
ainda, a superficie de 6xido de aluminio pode ser tratada
com acido polivinil fosfénico, 4&cido polivinil metil
fosfdnico, ésteres de acido fosférico do alcool
polivinilico, &cido polivinil sulfénico, &cido polivinil
benzeno sulfénico, ésteres de &cido sulfirico do &lcool
polivinilico, e acetais de &lcoois polivinilicos formados

por reagdo com um aldeido alifatico sulfonado.
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Outro tratamento péds-andédico Util pode ser
efetuado por meio de uma solugdo de acido poliacrilico, ou
um polimero compreendendo pelo menos 30 $ em moles de
unidades monoméricas de &cido acrilico, por exémplo o)
GLASCOL E15, um acido poliacrilico, comercialmente
disponivel através da ALLIED COLLOIDS.

O suporte de aluminio granulado e anodizado pode
ser um material semelhante a uma folha, tal como uma placa,
ou pode ser um elemento cilindrico, tal como um mangote que
pode ser deslizado em torno de um cilindro de impressdo de
uma prensa de impressdo.

O suporte pode também ser um suporte flexivel,
que pode estar provido com uma camada hidrofilica, a seguir
denominada como “camada base”. O suporte flexivel &, por
exemplo, de papel, filme plastico, ou aluminio. Os exemplos
preferidos de filmes pléasticos incluem filmes de
poli (tereftalato de etileno), filmes de poli(naftalato de
etileno), filmes de acetato de celulose, filmes de
poliestireno, filmes de policarbonato, etc. O suporte de
filme plastico pode ser opaco ou transparente.

A camada base é de preferéncia uma camada
hidrofilica reticulada obtida a partir de um ligante
hidrofilico reticulado por um agente de endurecimento tal
como formaldeido, glioxal, poliisocianato, ou um tetralquil
ortosilicato hidrolisado. Este ultimo é particularmente
preferido. A espessura da camada base hidrofilica pode
variar na faixa de 0,2 a 25 um, sendo de preferéncia de 1 a

10 pm. Maiores detalhes sobre modalidades preferidas da
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camada base podem ser encontrados, por exemplo, no EP-A 1
025 992.
O revestimento

O revestimento sobre o suporte compreende pelo
menos uma camada que consiste de uma composicdo foto
polimerizavel, que a seguir serd também designada como
“camada foto polimerizavel”. Tal revestimento pode também
compreender uma camada de barreira para oxigénio, a qual
compreende um polimero solivel em &gua ou expansivel em
agua, sobre a camada foto polimerizavel, tal camada de
barreira sendo a seguir também designada como “camada
superior” ou “overcoat”, ou “camada de overcoat”. O
revestimento pode compreender também uma camada
intermediaria entre a camada foto polimerizdvel e o
suporte.

A espessura do revestimento varia de preferéncia
entre 0,4 e 10 g/m2, mais preferivelmente entre 0,6 e 3
g/m?.

A camada foto polimerizdvel possui uma espessura
de revestimento wvariando de preferéncia entre 0,4 e 5,0
g/m?, mais preferivelmente entre 0,5 e 3,0 g/m?, ainda mais
preferivelmente entre 0,6 e 2,2 g/m>.

O composto promotor de adesio.

O composto promotor de adesdo é um composto capaz
de interagir com o suporte, de preferéncia um composto
possuindo uma ligagao etilenicamente insaturada
polimerizdvel por adigdo e um grupo funcional capaz de
interagir com o suporte, mais preferivelmente um grupo

funcional capaz de interagir com um suporte de aluminio
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granulado e anodizado. O termo ‘“interagir” deve ser
entendido como qualquer tipo de reacdo ou processo quimico
e/ou fisico pelo qual é formada uma ligacdo entre o grupo
funcional e o suporte, a qual pode ser uma ligacédo
covalente, uma ligagdo idénica, uma ligacdo complexa, uma
ligagdo coordenada, ou uma ligagdo por ponte de hidrogénio,
e que pode ser formada por um processo de adsorcdo, uma
reagdo quimica, uma reag¢do 4&cido - base, uma reacdo de
formagdo de complexo, ou uma reacdo de um grupo quelante ou
um ligante. O composto promotor de adesdo estd presente na
camada foto polimerizdvel e/ou em uma camada intermedidria
entre a camada foto polimerizdvel e o suporte.

() composto promotor de adesdao pode ser
selecionado dentre pelo menos um dos compostos de baixo
peso molecular ou compostos poliméricos descritos no EP-A
851 299, da linha 22 na pagina 3 & linha 1 na pagina 4, no
EP-A 1 500 498, do paragrafo [0023] na péagina 7, até o
paragrafo [0052] na pégina 20, no EP-A 1 495 866, do
paragrafo [0030] na pagina 5, ao para&grafo [0049] na pégina
11, no EP-A 1 091 251, do paradgrafo [0014] na pagina 3 ao
paragrafo [0018] na pagina 20, e no EP-A 1 520 694, do
paragrafo [0023] na pagina 6 até o paragrafo [0060] na
pagina 19. Os compostos preferidos s&do aqueles que
compreendem um grupo fosfato ou fosfonato como o grupo
funcional <capaz de ser adsorvido sobre o suporte de
aluminio e que compreendem uma ligacdo dupla etilénica
polimerizavel por adigdo, especialmente aqueles descritos
no EP-A 851 299, da 1linha 22 na pagina 3 a 1linha 1 na

pagina 4, e no EP-A 1 500 498, do paragrafo [0023] na
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pagina 7, até o paragrafo [0052] na pagina 20. sdo também
preferidos aqueles compostos  que compreendem grupos
trialquiloxi silana, a seguir também designados como grupos
“trialcoxi silana”, em que a alquila é de preferéncia
metila ou etila, ou em que os grupos trialquiloxi silana
estdao pelo menos parcialmente hidrolisados a grupos
silanol, como o grupo funcional capaz de ser adsorvido
sobre o suporte, especialmente agentes de acoplamento de
silana possuindo um grupo reativo com ligagdo dupla
etilénica polimerizadvel por adicdo, tal como descrito no
EP-A 1 557 262 paragrafo [0279] na pagina 49 e no EP-A 1
495 866 paragrafo [0030] na pagina 5 ao paradgrafo [0049] na
pagina 11.

O composto promotor de adesdo pode estar presente
na camada foto polimerizdvel em uma quantidade variando
entre 1 e 50 % em peso, de preferéncia entre 3 e 30 % em
peso, mais preferivelmente entre 5 e 20 % em peso dos
componentes ndo volateis da composicéao.

O composto promotor de adesdo pode estar presente
na camada intermediaria em uma quantidade de pelo menos 50
% em peso, de preferéncia pelo menos 80 % em peso, mais
preferivelmente pelo menos 90 % em peso, ainda mais
preferivelmente 100 % em peso dos componentes ndo volateis
da composicéao.

A camada intermedié&ria opcional possui uma
espessura de revestimento variando de preferéncia entre
0,001 e 1,5 g/m?, mais preferivelmente entre 0,003 e 1,0
g/m?, ainda mais preferivelmente entre 0,005 e 0,7 g/m?.

O composto polimerizavel e o iniciador de polimerizagédo.
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De acordo com uma modalidade da presente
invencao, o mondémero ou oligémero polimerizavel é um
mondémero ou oligdmero compreendendo pelo menos um grupo
funcional epdxi ou de éter vinilico e o iniciador é um
gerador de acido de Bronsted capaz de gerar um acido livre;
a seguir tal iniciador serd também designado como “foto
iniciador catidénico” ou “iniciador catiénico”.

Os mondmeros epdxi polifuncionais adequados
incluem, por exemplo, o carboxilato de 3,4-epdéxi ciclohexil
metil 3,4-epdéxi ciclohexano, o adipato de bis(3,4-epdxi
ciclohetil metila), uma resina epdxi difuncional de bisfeno
epicloridrina e uma resina epdxi multifuncional de
epicloridrina tetrafenilol etano.

Os foto iniciadores catidnicos adequados incluem,
por exemplo, o hexafllor antimoniato de triaril sulfénio, o
hexafltor fosfato de triaril sulfdnio, o hexafluor
antimoniato de diaril ioddénio e s-triazina substituida com
halalquila. Deve ser notado que a maioria dos iniciadores
catidnicos sdo também iniciadores de radicais livres, pois,
além de gerar o 4&cido de Bronsted, eles geram também
radicais livres durante a foto ou termo decomposicéo.

De acordo com uma modalidade mais preferida da
presente invencéao, o mondémero ou oligdémero foto
polimerizdvel ¢é um composto etilenicamente insaturado,
possuindo pelo menos um grupo terminal etilénico, a seguir
também designado como “mondmero polimerizavel por radicais
livres”, e o iniciador é um composto capaz de gerar
radicais livres, opcionalmente na presenga de um

sensibilizador, quando da exposig¢do; a seguir tal iniciador
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sera também designado como um “iniciador por radicais
livres”.

Os mondmeros polimerizdveis por radicais livres
adequados incluem, por exemplo, mondmeros multifuncionais
de (met)acrilato (tais como ésteres de (met)acrilato de
etileno glicol, trimetilol propano, pentaeritritol, etileno
glicol etoxilado e trimetilol propano etoxilado,
(met)acrilato multifuncional uretaneado, e (met)acrilato
epoxilado), e diacrilatos de amina oligoméricos. Os
mondémeros (met)acrilicos podem também possuir outra ligacdo
dupla ou grupo epdéxido além do grupo (met)acrilato. Os
mondmeros de (met)acrilato podem também conter uma
funcionalidade 4&cida (tal como de &cido carboxilico) ou
basica (tal como de amina).

Qualquer 1iniciador de radicais livres capaz de
gerar radicais livres diretamente ou na presenca de um
sensibilizador quando exposto pode ser usado como um
iniciador de radicais livres da presente invencdo. Os
iniciadores de radicais 1livres apropriados incluem, por
exemplo, o0s derivados de acetofenona (tais como a 2,2-
dimetoxi 2-fenil acetofenona e a 2-metil 1-[4-(metil tio)
fenil 2-morfolino propan-2-ona), benzofenona, benzila,
cetocumarina (tais como a 3-benzoil 7-metoxi cumarina e a
7-metoxi cumarina), =xantona, tioxantona, benzoina, ou uma
antraquinona substituida com alquila; sais énio (tais como
o hexaflior antimonato de diaril ioddénio, triflato de
diaril ioddénio, hexaflior antimonato de (4-(2-hidroxi
tetradeciloxi) fenil) fenil ioddénio, hexaflior fosfato de

triaril sulfénio, p-tolueno sulfonato de triaril sulfénio,
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hexafltor antimonato de (3-fenil propan-2-onil) triaril
fosfdénio, e hexafluor fosfato de N-etoxi (2-metil)
piridinio, bem como sais ©énio tal como descrito nas
Patentes U.S. N2 5 955 238, 6 037 098 e 5 629 354); sais
de borato (tais como trifenil (n-butil) borato de
tetrabutil amdénio, trifenil (n-butil) borato de tetraetil
aménio, tetrafenil borato de difenil iodénio, e trifenil
(n-butil) borato de trifenil sulfénio; e sais de borato tal
como descrito nas Patentes U.S. N2 6 232 038 e 6 218 076);
s-triazinas substituidas com halo alquilas (tais como a
2,4-bis(tricloro metil) 6-(p-metoxi estiril) s-triazina, a
2,4-bis(tricloro metil) 6-(4-metoxi naft-1-il) s-triazina,
a 2,4-bis(tricloro metil) 6-piperonil s-trizina, e a 2,4-
bis(tricloro metil) 6-[(4-etoxi etilenoxi) fen-1-il] s-
triazina; e s-triazinas tal como descrito nas Patentes U.S.
N= 5 955 238, 6 037 098, 6 010 824 e 5 629 354); e
titanoceno (bis(etano 9-2,4-ciclopentadien-1-il) bis[2,6-
difldor 3-(lH-pirrol-1-il) fenil) titdnio). Os sais 6énio,
sais de borato e s-triazinas s&do os iniciadores de radicais
livres preferidos. Os sais de diaril iodénio e triaril
sulfdénio sdo os sais 06nio preferidos. Os sais de triaril
alquil boratos sdo os sais de borato preferidos. As s-
triazinas substituidas com tricloro metila sdo as s-
triazinas preferidas.

Os iniciadores de foto polimerizacdo conhecidos
podem ser usados na composicdo da presente invencdo. Em uma
modalidade preferida da presente invencdo, a composicdo
foto polimerizavel de acordo com a presente invencao

compreende um composto de hexaril bis(imidazola) (HABI;
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dimero da triaril imidazola) como um iniciador de foto
polimerizacao isoladamente ou em combinacdo com outros foto
iniciadores.

Um procedimento para a preparacdo de hexaril
bis(imidazolas) estd descrito na DE 1 470 154 e seu uso em
composigdes foto polimerizaveis estd documentado na EP 24
629, EP 107 792, US 4 410 621, EP 215 453 e DE 3 211 312.
Os derivados preferidos sdo, por exemplo, a 2,4,5,2',4’,5"-
hexafenil bis(imidazola), a 2,2"-bis(2-cloro fenil)
4,5,4",5" -tetrafenil bis(imidazola), a 2,2’-bis(2,4-dicloro
fenil) 4,5,4’,5"-tetrafenil bis(imidazola), a 2,2’-bis(2-
cloro fenil) 4,5,47 ,5' -tetrakis (3-metoxi fenil)
bis(imidazola), a 2,2"-bis(2-cloro fenil) 4,5,47,5" -
tetrakis(3,4,5-trimetoxi fenil) bis(imidazola), a
2,5,2",5" ~tetrakis (2-cloro fenil) 4,4’ -bis(3,4-dimetoxi
fenil) bis(imidazola), a 2,2"-bis(2,6-dicloro fenil)
4,5,4’ ,5' -tetrafenil Dbis(imidazola), a 2,2’'-bis(2-nitro
fenil) 4,5,4’,5'-tetrafenil bis(imidazola), a 2,2’-di-o-
tolil 4,5,4’,5" -tetrafenil bis(imidazola), a 2,2’'-bis(2-
etoxi fenil) 4,5,4’,5'-tetrafenil bis(imidazola), e a 2,2’—
bis(2,6-difldor fenil) 4,5,4’,5"-tetrafenil bis(imidazola).
A quantidade do foto iniciador HABI varia tipicamente de
0,01 a 30 % em peso, de preferéncia de 0,5 a 20 % em peso,
em relacdao ao peso total dos componentes ndo volateis da
composicgdo foto polimerizavel.

Uma sensibilidade muito elevada pode ser obtida
no contexto da presente inveng¢do pela combinacdo de um
alvejante Optico como sensibilizador e uma hexaril

bis{(imidazola) como foto iniciador.
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Classes adequadas de foto iniciadores que ndo de
compostos de hexaril bis(imidazola) incluem cetonas
aromaticas, sais 6nio aromdticos, perdxidos orgdnicos, tio
compostos, compostos de ésteres de cetoximas, compostos de
borato, compostos azinio, compostos metalocénicos,
compostos de éster ativos e compostos possuindo uma ligacgdo
carbono - halogénio, porém a composicdo de preferéncia
compreende um iniciador de foto polimerizacdo que nédo
contém boro, sendo particularmente que o iniciador de foto
polimerizacdo n&o contenha qualquer composto de boro.
Varios exemplos especificos de foto iniciadores adequados
para a presente inveng¢do podem ser encontrados no documento
EP-A 1 091 247. outros iniciadores preferidos sdo as
trihalo metil sulfonas.

De preferéncia, os compostos de hexaril
bis(imidazola) e/ou compostos metalocénicos sdo usados
isoladamente ou em combinacdo com outros foto iniciadores
adequados, em particular com cetonas aromaticas, sais énio
aromaticos, peréxidos orgdnicos, tio compostos, compostos
de ésteres de cetoxima, compostos azinio, compostos de
ésteres ativos, ou compostos possuindo uma ligacdo carbono
- halogénio.

Em uma modalidade preferida da presente invencéo,
Os compostos de hexaril bis(imidazola) perfazem mais do que
50 % em moles, de preferéncia pelo menos 80 % em moles e em
particular pelo menos 90 % em moles de todos os foto
iniciadores wusados na composicdo foto polimerizavel da

presente invencéo.
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De acordo com outra modalidade da presente
invencao, o mondmero ou oligémero polimerizavel pode ser
uma combinacdo de um mondmero ou oligdémero compreendendo
pelo menos um epdxi ou grupo funcional de éter vinilico e
um composto etilenicamente insaturado polimerizavel,
possuindo pelo menos um grupo terminal etilénico, tal
iniciador podendo ser uma combinacdo de um iniciador
catidénico e um iniciador de radicais livres. Um mondmero ou
oligémero compreendendo pelo menos um epdxi ou grupo
funcional de éter vinilico e um composto etilenicamente
insaturado polimerizavel, possuindo pelo menos um grupo
terminal etilénico podem ser o mesmo composto, em que o
composto contém tanto o grupo etilénico como o grupo epdxi
ou de éter vinilico. Os exemplos de tais compostos incluem
mondmeros acrilicos epdéxi funcionais, tais como o acrilato
de glicidila. O iniciador de radicais livres e o iniciador
catidnico podem ser o mesmo composto, caso o composto seja
capaz de gerar tanto radicais livres como &cidos livres. Os
exemplos de tais compostos incluem varios sais énio, tais
como o hexafluor antimoniato de diaril iodénio e s-
triazinas tais como a 2,4-bis(tricloro metil) 6-[(4-etoxi
etilenoxi) fen-1-il] s-triazina, que sdo capazes de gerar
tanto radicais livres como &cido livre na presenca de um
sensibilizador.

A camada foto polimerizavel pode também
compreender um mondémero multifuncional. Pode também
compreender um mondmero multifuncional. Tal mondémero contém
pelo menos dois grupos funcionais selecionados dentre um

grupo etilenicamente insaturado e/ou um grupo de éter
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vinilico ou epdéxi. Mondémeros multifuncionais especificos
para uso no revestimento de foto polimero estdo descritos
na US 6 410 205, US 5 049 479, EP 1 079 276, EP 1 369 232,
EP 1 369 231, EP 1 341 040, US 2003/0 124 460, EP 1 241
002, EP 1 288 720 e no livro referéncia que inclui as
seguintes referéncias: Chemistry & Technology UV & EB
formulation for coatings, inks & paints - volume 2 -
Prepolymers and Reactive Diluents for UV & EB Curable
Formulations, por N. S. Allen, M. A. Johnson, P. K. T.
Oldring, M. S. Salim - editado por P. K. T. Oldring, 1991 -
ISBN 0 947798102. S&o particularmente preferidos mondémeros
multifuncionais de (met)acrilato de uretano, que podem ser
usados isoladamente ou em combinacdo com outros mondmeros
multifuncionais de (met)acrilato.

A camada foto polimerizéavel pode também
compreender um co-iniciador. Tipicamente, um co-iniciador é
usado em combinag¢do com um iniciador de radicais livres
e/ou um iniciador catidnico. Co-iniciadores especificos
para uso no revestimento de foto polimero estdo descritos
na US 6 410 205, US 5 049 479, EP 1 079 276, EP 1 369 232,
EP 1 369 231, EP 1 341 040, US 2003/0 124 460, EP 1 241
002, EP 1 288 720 e no 1livro referéncia que inclui as
referéncias citadas: Chemistry & Technology UV & EB
formulation for coatings, inks & paints - volume 3 -
Photoinitiators for Free Radical and Cationic
Polymerisation, por K. K. Dietliker - editado por P. K. T.
Oldring, 1991 - ISBN 0 947798161.

A camada foto polimerizavel pode também

compreender um inibidor. Inibidores especificos para uso no
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revestimento de foto polimero estdo descritos na US 6 410
205, EP 1 288 720, e no pedido de patente ndo publicado EP-
A 0 4 101 955, depositado em 6/5/2004.
O ligante da camada foto polimerizavel

A camada foto polimerizéavel pode também
compreender um ligante. O ligante pode ser selecionado
dentre uma ampla gama de polimeros organicos. Podem também
ser usadas composicdes de diferentes ligantes. Os ligantes
Uteis incluem, por exemplo, polialquilenos clorados (em
particular polietileno clorado e polipropileno clorado),
ésteres algilicos ou ésteres alquenilicos de 4cido
polimetacrilico (em particular o poli(met) (acrilato de
metila), e} poli(met) (acrilato de etila), o
poli (met) (acrilato de butila), o poli(met) (acrilato de
isobutila), o poli (met) (acrilato de hexila), o
poli (met) (acrilato de 2-etil hexila), e copolimeros de
poli(met) (acrilato de alquila) de ésteres alquilicos ou
ésteres alquenilicos de &cido acrilico com outros mondmeros
copolimerizaveis (em particular com (met)acrilonitrila,
cloreto de vinila, cloreto de vinilideno, estireno e/ou
butadieno), copolimeros de poli(cloreto de vinila) (PVC) /
(met)acrilonitrila, copolimeros de poli (cloreto de
vinilideno) (PVDC) / (met)acrilonitrila, poli(acetato de
vinila), alcool polivinilico, polivinil pirrolidona,
copolimeros de vinil pirrolidona ou vinil pirrolidona
alquilada, poli(vinil caprolactama), copolimeros de vinil
caprolactama, poli((met)acrilonitrila), copolimeros de
(met)acrilonitrila / estireno, copolimeros de

(met)acrilamida / (met)acrilato de alquila, terpolimeros de
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(met)acrilonitrila / butadieno / estireno (ABS),
poliestireno, poli (a-metil estireno), poliamidas,
poliuretanos, poliésteres, metil celulose, etil celulose,
acetil celulose, hidroxi (C; - C4)alquil celulose, carboxi
metil celulose, poli(vinil formal) e poli(vinil butiral).
Sdo ligantes particularmente preferidos os polimeros
possuindo como unidades monoméricas a vinil caprolactama, a
vinil pirrolidona, ou a vinil pirrolidona alquilada. Os
polimeros de vinil pirrolidona alquilada podem ser obtidos
por insercdo de alfa olefinas na cadeia principal do
polimero de vinil pirrolidona. Exemplos tipicos de tais
produtos incluem 0s polimeros Agrimer AL Graft
comercialmente disponiveis através da ISP. O comprimento do
grupo de alquilacdo pode variar de Cq a Czp. Outros ligantes
Uteis sdo ligantes contendo grupos carboxila, em particular
copolimeros contendo unidades monoméricas de acidos
carboxilicos «,B-insaturados ou unidades monoméricas de
acidos dicarboxilicos (de preferéncia acido acrilico, acido
metacrilico, &cido croténico, &cido vinil acético, A&cido
maléico, ou acido itacdénico). O termo “copolimero” deve ser
entendido no contexto da presente invencdo como polimeros
contendo unidades de pelo menos dois mondémeros diferentes,
e portanto também terpolimeros e polimeros mistos
superiores. Os exemplos especificos de copolimeros uteis
incluem aqueles contendo unidades de acido (met)acrilico e
unidades de (met)acrilatos de alquila, (met)acrilatos de
alila e/ou (met)acrilonitrila, bem como copolimeros
contendo wunidades de &cido crotdénico e unidades de

(met)acrilatos de alquila e/ou (met)acrilonitrila e
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copolimeros de &cido vinil acético / (met)acrilato de
alquila. S&o também adequados copolimeros contendo unidades
de anidrido maléico, ou ésteres monoalquilicos de acido
maléico. Dentre estes incluem-se, por exemplo, copolimeros
contendo unidades de anidrido maléico e estireno, éteres ou
ésteres insaturados, ou hidrocarbonetos alifaticos
insaturados e os produtos de esterificacido obtidos a partir
de tais copolimeros. Outros ligantes adequados sdo produtos
que podem ser obtidos através da conversdo de polimeros
contendo hidroxila com anidridos dicarboxilicos intra-
moleculares. Outros ligantes uteis sdo os polimeros nos
quais estdo presentes grupos com &tomos de hidrogénio
acidos, alguns ou todos os quais s&o convertidos com
isocianatos ativados. Os exemplos de tais polimeros incluem
produtos obtidos por conversdo de polimeros contendo
hidroxila com sulfonil isocianatos alifaticos ou
aromdticos, ou isocianatos de A&cido fosfinico. Si3o também
adequados polimeros com grupos hidroxila alifaticos ou
aromaticos, por exemplo copolimeros contendo unidade de
(met)acrilatos de hidroxi alquila, &lcool alilico, hidroxi
estireno, ou 4&alcool vinilico, bem como resinas epdxi,
contanto que eles portem um numero suficiente de grupos OH
livres. Ligantes e ligantes reativos particularmente uteis
estdo descritos na EP 1 369 232, EP 1 369 231, EP 1 341
040, US 2003/0 124 460, EP 1 241 002, EP 1 288 720, US 6
027 857, US 6 171 735 e US 6 420 089.

Os polimeros organicos wusados como ligantes
possuem um tipico peso molecular médio Mw entre 600 e

700.000, de preferéncia entre 1.000 e 350.000. Também é
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dada preferéncia a polimeros possuindo um numero de &acido
entre 10 e 250, de preferéncia 20 a 200, ou um numero de
hidroxila entre 50 e 750, de preferéncia entre 100 e 500. a
quantidade de ligantes varia de um modo geral de 10 a 90 &
em peso, de preferéncia 20 a 80 % em peso, em relacdo ao
peso total dos componentes ndo volateis da composicdo.

Sdao também ligantes particularmente adequados os
copolimeros de acetato de vinila e 4&lcool wvinilico,
compreendendo de preferéncia &lcool vinilico em uma
quantidade de 10 a 98 % em moles, mais preferivelmente

entre 35 e 95 % em moles, ainda mais preferivelmente 40 e

75

o

em moles; os melhores resultados sdo obtidos com 50 a

65

oe

em moles de alcool vinilico. O valor de éster, medido
pelo método definido na DIN 53 401, dos copolimeros de
acetato de vinila e &lcool vinilico varia de preferéncia
entre 25 e 700 mg KOH/g, mais preferivelmente entre 50 e
500 mg KOH/g, ainda mais preferivelmente entre 100 e 300 mg
KOH/g. A viscosidade dos copolimeros de acetato de vinila e
dlcool vinilico é medida em uma solucdo aquosa a 4 % em
peso a 20 °C, tal como definido na DIN 53 015, a
viscosidade variando de preferéncia entre 3 e 60 mPa.s,
mais preferivelmente entre 4 e 30 mPa.s, ainda mais
preferivelmente entre 5 e 25 mPa.s. O peso molecular médio,
Mw, dos copolimeros de acetato de vinila e &lcool vinilico
varia de preferéncia entre 5.000 e 500.000 g/mol, mais
preferivelmente entre 10.000 e 400.000 g/mol, ainda mais
preferivelmente entre 15.000 e 250.000 g/mol. Outros

ligantes preferidos estdo descritos na EP 152 819 B1l, na



10

15

20

25

40/73

pagina 2, linha 50, até a pagina 4, linha 20, e na EP 1 043
627 Bl, no paragrafo [0013] na pagina 3.

Em outra modalidade, o ligante ©polimérico
compreende uma cadeia principal hidrofébica e grupos
pendentes incluindo, por exemplo, um segmento hidrofilico
de poli(6éxido de alquileno). O 1ligante polimérico pode
também incluir grupos ciano pendentes ligados & cadeia
principal hidrofébica. Pode também ser empregada uma
combinagcdo de tais ligantes. De um modo geral, o ligante
polimérico é sélido na temperatura ambiente e é tipicamente
um termoplastico ndo elastomérico. O ligante polimérico
compreende regides hidrofilicas e hidrofébicas, o que é
considerado importante para aumentar a diferenciacdo das
areas expostas e ndo expostas por facilitar a capacidade de
revelagdo. De um modo geral, o ligante polimérico é
caracterizado por um peso molecular médio numérico (Mn) na
faixa de cerca de 10.000 a 250.000, mais comumente na faixa
de cerca de 25.000 a 200.000. A composicdo polimerizavel
pode compreender particulas individuais do ligante
polimérico. De preferéncia, as particulas individuais sdo
particulas do ligante polimérico que estdo suspensas na
composicéao polimerizavel. A  presenca de particulas
individuais tende a promover a capacidade de revelacdo das
dreas ndo expostas. Exemplos especificos dos ligantes
poliméricos de acordo com a presente modalidade estéo
descritos na US 6 899 994, na US 2004 / O 260 050, Us
2005/0 003 285, US 2005/0 170 286 e na US 2005 0 123 853.
além do ligante polimérico da presente modalidade, a camada

de imageamento pode opcionalmente compreender um ou mais
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co-ligantes. Os co-ligantes tipicos sdo polimeros soliveis
em agua ou dispersaveis em Aagua, tais como derivados de
celulose, &lcool polivinilico, &cido poliacrilico, A&cido
poli (met)acrilico, polivinil pirrolidona, polilactetos,
acido polivinil fosfénico, copolimeros sintéticos tais como
0 copolimero de um (met)acrilato de alcoxi polietileno
glicol. Exemplos especificos de co-ligantes estdo descritos
na US 2004/0 260 050, US 2005/0 003 285 e US 2005/0 123
853. Os precursores de placa de impressio, cuja camada de
imageamento compreende um ligante e opcionalmente um co-
ligante de acordo com a presente modalidade, estao
descritos em maiores detalhes na US 2004/0 260 050, US
2005/0 003 285 e US 2005/0 123 853, compreendem
opcionalmente um revestimento superior e uma camada
intermediéria.
Tenso ativo

Varios tenso ativos podem ser adicionados a
camada foto polimerizavel para permitir ou aumentar a
capacidade de revelagdo do precursor com uma solucdo de
goma. Podem ser usados tanto tenso ativos poliméricos como
de pequenas moléculas. S&o preferidos os tenso ativos néo
idnicos. Os tenso ativos ndo iénicos preferidos s&o
polimeros e oligdémeros contendo um ou mais segmentos de
polieter (tais como polietileno glicol, polipropileno
glicol e um copolimero de etileno glicol e propileno
glicol). Os exemplos de tenso ativos ndo iénicos preferidos
incluem copolimeros em bloco de pfbpileno glicol e etileno
glicol (também denominado como copolimero em blocos de

6xido de propileno e o6xido de etileno); oligémeros de
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acrilato etoxilados ou propoxilados, e alquil fendis
polietoxilados e 4&lcoois graxos polietoxilados. O tenso
ativo ndo 1ibénico ¢é de preferéncia adicionado em uma
quantidade variando entre 0,1 e 30 % em peso do
revestimento, mais preferivelmente entre 0,5 e 20 % e ainda
mais preferivelmente entre 1 e 15 %.
Sensibilizador

A composicdo foto curavel pode também compreender
um sensibilizador. Sao sensibilizadores altamente
preferidos os sensibilizadores que absorvem luz violeta,
possuindo um espectro de absorcdo entre 350 nm e 450 nm, de
preferéncia entre 370 nm e 420 nm, mais preferivelmente
entre 390 nm e 415 nm. Sensibilizadores particularmente
preferidos estdo descritos na EP 1 349 006, paragrafos
[0007] a [0009], no EP-A 3 103 499, depositado em
22/09/2003, e no WO 2004/047 930, incluindo as referéncias
citadas em tais pedidos de patente. Outros sensibilizadores
altamente preferidos sdo os corantes absorvedores de 1luz
infravermelho, possuindo um espectro de absorcdo entre 750
nm e 1300 nm, de preferéncia entre 780 nm e 1200 nm, mais
preferivelmente entre 800 nm e 1100 nm. Sao
sensibilizadores particularmente preferidos os corantes de
heptametino ciano, especialmente os corantes descritos na
EP 1 359 008, paragrafos [0030] a [0032]. Outros
sensibilizadores preferidos incluem sensibilizadores
absorvedores de luz azul, verde, ou vermelha, possuindo um
espectro de absorcdo entre 450 nm e 750 nm. Os
sensibilizadores uteis podem ser selecionados dentre os

corantes sensibilizadores descritos nas US 6 410 205, US 5
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049 479, EP 1 079 276, EP 1 369 232, EP 1 369 231, EP 1 341
040, US 2003/0 124 460, EP 1 241 002 e EP 1 288 720.
Corante

A camada foto polimerizdvel ou outra camada do
revestimento podem também conter um corante. O corante pode
estar presente na camada foto polimerizdvel ou em uma
camada separada abaixo ou acima da camada foto
polimerizavel. Apds o processamento com uma solucdo de
goma, pelo menos parte do corante permanece sobre as Aareas
de revestimento endurecidas e uma imagem visivel pode ser
produzida sobre o suporte através da remo¢ao do
revestimento, incluindo o corante, nas &reas ndo expostas
no processamento por goma.

O corante pode ser um corante ou um pigmento. Um
corante ou pigmento pode ser usado como um colorante quando
a camada, contendo o corante o pigmento, for corado para o
olho humano.

O colorante pode ser um pigmento. Podem ser
usados varios tipos de pigmentos, tais como pigmentos
organicos, pigmentos inorgdnicos, negro de fumo, pigmentos
metalicos em pd e pigmentos fluorescentes. Sio preferidos
o0s pigmentos orgénicos.

Exemplos especificos de pigmento orgénicos
incluem pigmentos de quinacridona, pigmentos de
quinacridona quinona, pigmentos de dioxazina, pigmentos de
ftalocianina, pigmentos de antrapirimidina, pigmentos de
antantrona, pigmentos de indantrona, pigmentos de
flavantrona, pigmentos de perileno, pigmentos de

dicetopirrolo pirrola, pigmentos de perinona, pigmentos de
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quinoftalona, pigmentos de antraquinona, pigmentos de
ticendigo, pigmentos de benzimidazolona, pigmentos de
isoindolinona, pigmentos deazometina e azo pigmentos.

Os exemplos especificos de pigmentos que podem
ser usados como colorantes incluem os seguintes (aqui CI
constitui uma abreviacdo para “Color Index” / indice de
cor; por pigmento de cor azul entenda-se um pigmento que
aparenta ser azul para o olho humano; os outros pigmentos
coloridos devem ser considerados da mesma forma):

Pigmentos de cor azul que incluem o CI pigmento azul 1, o
CI pigmento azul 2, o CI pigmento azul 3, o CI pigmento
azul 15, o CI pigmento azul 4, o CI pigmento azul 34, o CI
pigmento azul 16, o CI pigmento azul 22, o CI pigmento azul
60 e similares, bem como o CI azul VAT 4, o CI azul VAT 60
e similares;

Pigmentos de cor vermelha que incluem o CI pigmento
vermelho 5, o CI pigmento vermelho 7, o CI pigmento
vermelho 12, o CI pigmento vermelho 48 (CA) , o CI pigmento
vermelho 48 (MN) , o CI pigmento vermelho 122, o CI
pigmento vermelho 123, o CI pigmento vermelho 168, o CI
pigmento vermelho 184, o CI pigmento vermelho 202 e o CI
pigmento vermelho 209;

Pigmentos de cor amarela que incluem o CI pigmento amarelo
1, o CI pigmento amarelo 2, o CI pigmento amarelo 3, o CI
pigmento amarelo 12, o CI pigmento amarelo 13, o CI
pigmento amarelo 14C, o CI pigmento amarelo 16, o CI
pigmento amarelo 17, o CI pigmento amarelo 73, o CI
pigmento amarelo 74, o CI pigmento amarelo 75, o CI

pigmento amarelo 83, o CI pigmento amarelo 93, o CI
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amarelo 95, o CI pigmento amarelo 97, o CI
pigmento amarelo 98, o CI pigmento amarelo 109, o CI
pigmento amarelo 110, o CI pigmento amarelo 114, o CI
pigmento amarelo 128, o CI pigmento amarelo 129, o CI
pigmento amarelo 138, o CI pigmento amarelo 150, o CI
pigmento amarelo 151, o CI pigmento amarelo 154, o CI
pigmento amarelo 155, o CI pigmento amarelo 180 e o CI

pigmento amarelo 185;

Pigmentos de cor laranja que incluem o CI pigmento laranja

36, o CI pigmento 1laranja 43 e uma mistura de tais

pigmentos;

Pigmentos de cor verde que incluem o CI pigmento verde 7, o
CI pigmento verde 36 e uma mistura de tais pigmentos;
Pigmentos de cor preta que incluem aqueles fabricados pela

Mitsubishi Chemical Corporation, por exemplo o N2 2300, o

N® 900, o MCF 88, o N2 33, o N2 40, o N2 45, o N° 52, o MA
8, o MA 100 e o N® 2200 B;

Aqueles fabricados pela Columbian Carbon Co., Ltd., por
exemplo, o Raven 5750, o Raven 5250, o Raven 5000, o Raven
3500, o Raven 1255 e o Raven 700;

Aqueles fabricados pela Cabot Corporation, por exemplo, o

Regal 400 R, o Regal 330 R, o Regal 660 R, o Mogul L, o

Monarch 700, o Monarch 800, o Monarch 880, o Monarch 900, o

Monarch 1000, o Monarch 1100, o Monarch 1300 e o Monarch

1400; e

Aqueles fabricados pela Degussa, por exemplo, o Color Black

FW 1, o Color Black FW 2, o Color Black FW 2 V, o Color

Black FW 18, o Color Black FW 200, o Color Black S 150, o

Color Black S 160, o Color Black S 170, o Printex U, o
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Printex V, o Printex 140 U, o Special Black 6, o Special
Black 5, o Special Black 4A e o Special Black 4.

Podem também ser usados como colorante outros
tipos de pigmentos, tais como pigmentos marrons, pigmentos
violeta, pigmentos fluorescentes e pigmentos de pbs
metédlicos. Os pigmentos como colorantes podem ser usados
isoladamente, ou na forma de uma mistura de dois ou mais
pigmentos.

Sdo preferidos os pigmento de cor azul, incluindo
pigmentos violeta.

Os pigmentos podem ser usados com ou sem serem
submetidos a tratamento superficial das particulas de
pigmento. De preferéncia, os pigmentos s&o submetidos a
tratamento de superficie. Os métodos para tratamento de
superficie incluem métodos para aplicacéo de um
revestimento superficial de resina, métodos para aplicacio
de tenso ativos, e métodos para ligacdo de um material
reativo (por exemplo, um agente de acoplamento de silana,
um composto epdxi, poliisocianato, ou similar) & superficie
do pigmento. Exemplos adequados de pigmentos com tratamento
de superficie incluem os pigmentos modificados descritos no
WO 02/04 210. Especificamente, na presente invencdo sé&o
preferidos como colorantes os pigmentos de cor azul
modificados descritos no WO 02/04 210.

Os pigmentos possuem um tamanho de particulas que
¢ de preferéncia menor do que 10 um, mais preferivelmente
menor do que 5 pum e especialmente menor do que 3 upm. O
método para dispersar os pigmentos pode ser qualquer método

de dispersdo que seja usado para a producdo de tinta,
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tonalizador / toner, ou similares. As maquinas de dispersdo
incluem um dispersador ultra-sénico, um moinho de areia, um
triturador por atrito, um moinho de esferas, um super
moinho, um moinho de bolar, um hélice, um dispensador, um
moinho KD, um moinho coloidal, um Dynatron, um moinho de
trés roletes e um amassador Z. Os detalhes destes estéao
descritos em “Latest Pigment Applied Technology” (CMC
Publications, publicado em 1986).

Um agente de dispersdo pode ser omitido na
preparagcdo de dispersdes dos chamados pigmento auto
dispersantes. Exemplos especificos de pigmentos auto
dispersantes incluem pigmentos que s3o submetidos a um
tratamento de superficie de tal forma que a superficie do
pigmento fique compativel com o liquido de dispersao.
Exemplos tipicos de pigmentos auto dispersantes em um meio
aquoso 1incluem pigmentos que possuem grupos idnicos ou
ionizaveis, ou cadeias de polioxi etileno acopladas a
superficie das particulas. Os exemplos de grupos idénicos ou
ionizaveis incluem grupos acidos ou sais de tais, tais como
grupos de acido carboxilico, &cido sulfénico, acido
fosférico, ou A&acido fosfénico, e sais de metais alcalinos
de tais 4acidos. Exemplos adequados de pigmentos auto
dispersantes estdo descritos no WO 02/04 210, sendo estes
preferidos na presente invencédo. Sdo preferidos o©s
pigmentos auto dispersantes de cor azul do WO 02/04 210.

Tipicamente, a quantidade de pigmento no
revestimento pode estar na faixa de cerca de 0,005 g/m® a 2

g/m*, de preferéncia cerca de 0,007 g/m®> a 0,5 g/m?, mais
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preferivelmente cerca de 0,01 g/m® a 0,20 g/m?, ainda mais
preferivelmente cerca de 0,01 g/m® a 0,1 g/m?.

O colorante pode também ser um corante. Quaisquer
corantes conhecidos, tais como corantes comercialmente
disponiveis, ou os corantes descritos, por exemplo, no “Dye
Handbook” (editado pela Organic Synthetic Chemistry
Association, publicado em 1970), que sdo coloridos para o
olho humano, podem ser usados como O colorante no
revestimento foto polimerizdvel. Os exemplos especificos de
tais incluem azo corantes, azo corantes de sais complexos
de metais, azo corantes de ©pirazolona, corantes de
antraquinona, corantes de ftalocianina, corantes de
carboidnio, corantes de quinonimina, corantes de metina e
similares. S&o preferidos os corantes de ftalocianina. Os
corantes adequados sdo corantes orgdnicos formadores de
sais, podendo ser selecionados dentre corantes soluveis em
6leos e corantes basicos. Os exemplos especificos de tais
incluem (aqui CI é uma abreviacdo de Color Index): O0il
Yellow 101, 0Oil Yellow 103, 0Oil Pink 312, 0il Green BG, 0il
Blue GOS, 0il Blue 603, 0il Black BY, 0il Black BS, 0il
Black T-505, Victoria Pure Blue, Crystal Violet (CI 42555),
Methyl Violet (CI 42535), Ethyl Violet, Rhodamine B (CI
415170B), Malachite Green (CI 42000), Methylene Blue (CI
52015) . Além destes, podem ser usados como colorantes os
corantes descritos na GB 2 192 729.

Tipicamente, a quantidade de corante no
revestimento pode estar na faixa de cerca de 0,005 g/m? a 2

g/m’, de preferéncia cerca de 0,007 g/m?> a 0,5 g/m?, mais
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preferivelmente cerca de 0,01 g/m* a 0,2 g/m?, ainda mais
preferivelmente cerca de 0,01 g/m?® a 0,1 g/m?.
Agente de impressdo externa (printing-out)

A camada foto polimerizdvel ou outra camada do
revestimento podem também compreender um agente de
impressdo extarna ou “printing-out”, isto é, um composto
que é capaz de modificar a cor do revestimento quando da
exposicdo. Apbs a exposicdo do precursor & imagem, pode ser
produzida uma imagem visivel, a seguir também designada
como uma “imagem print-out” ou “imagem de impresséo
externa”. O agente de impressdo externa pode ser um
composto tal como descrito no EP A 1 491 356, paragrafos
[0116] a [0119] nas paginas 19 e 20, e no US 2005/8 971,
paragrafos [0168] a [0172] na pagina 17. os agentes de
impressao externa preferidos incluem os compostos descritos
no pedido PCT nao publicado PCT/EP 2005/053 141, depositado
em 1° de julho de 2005, da linha 1, pagina 9 & linha 27,
pagina 20. S&o mais preferidos os corantes IR, tal como
descrito no pedido de patente ndo publicado EP 05 105
440.1, depositado em 21 de junho de 2005, da 1linha 32,
pagina 5, a linha 9, pagina 32.

O contraste

O contraste da imagem formada apds a exposicdo a
imagem e o processamento com uma solucdo de goma é definido
como a diferenca entre a densidade éptica na area exposta e
a densidade o6ptica na a&rea ndo exposta, sendo tal contraste
de preferéncia tdo alto quanto possivel. Isto permite ao
usuario final determinar imediatamente se o precursor ja

foi ou n&o exposto e processado com uma solucdo de goma,
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distinguir as diferentes seleg¢des de cor, e inspecionar a
qualidade da imagem sobre o precursor de placa tratado.

O contraste aumenta com a elevacdo da densidade
Optica na &rea exposta e/ou com a reducdo da densidade
6ptica nas areas ndo expostas. A densidade oéptica na &rea
exposta pode se elevar com a quantidade e coeficiente de
extingdo do corante remanescente nas Areas expostas e com a
intensidade da <cor formada pelo agente de impress&o
externa. Nas 4&reas ndo expostas ¢é preferido que a
quantidade de colorante seja tdo baixa quanto possivel. A
densidade optica pode ser medida em termos de refletdncia
por um densitdémetro dptico equipado com varios filtros (por
exemplo, ciano, magenta, amarelo). A diferenca de densidade
Optica entre a area exposta e a &rea ndo exposta possui de
preferéncia um valor de pelo menos 0,3, mais
preferivelmente pelo menos 0,4, ainda mais preferivelmente
pelo menos 0,5. N&o existe qualquer limite superior
especifico para o valor do contraste, porém o contraste ndo
€ tipicamente maior do que 3,0, ou mesmo ndo maior do que
2,0. Para a obtengdo de um bom contraste visual para um
observador humano, o tipo de cor do colorante também pode
ser importante. As cores preferidas para o colorante sdo as
cores ciano ou azul, isto ¢é, por cor azul deve ser
entendida uma cor que aparenta ser azul para o olho humano.
A camada de topo / superior

O revestimento pode incluir uma camada superior
que atua como uma camada de barreira para oxigénio, a
seguir designada como uma “camada de overcoat” ou “camada

de sobre-revestimento”, ou simplesmente “overcoat”. Os
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ligantes preferidos que podem ser usados na camada de topo
incluem o &lcool polivinilico e os polimeros descritos no
EP A 3 103 498, depositado em 22/09/2003, na US 6 410 205 e
na EP 1 288 720, incluindo as referéncias citadas em tais
patentes e pedidos de patente. O ligante favorito para a
camada de topo é o &lcool polivinilico. O &lcool
polivinilico terd de preferéncia um grau de hidrdlise
variando entre 74 % em moles e 99 % em moles. O peso
molecular médio ponderal do &lcool polivinilico pode ser
medido através da viscosidade de uma solucdo aquosa a 4 $%
em peso, a 20 °C, tal como definido na DIN 53 015, tal
valor de viscosidade variando de preferéncia entre 3 e 26,
mais preferivelmente entre 3 e 15, ainda mais
preferivelmente entre 3 e 10.

A espessura do revestimento da camada de topo
fica de ©preferéncia entre 0,25 e 1,75 g/m?, mais
preferivelmente entre 0,25 e 1,3 g/mz, ainda mais
preferivelmente entre 0,25 e 1,0 g/mz. em uma modalidade
mais preferida da presente invencdo, a camada de topo
possul uma espessura de revestimento entre 0,25 e 1,75 g/m?
e compreende um alcool polivinilico possuindo um grau de
hidrélise variando entre 74 % em moles e 99 % em moles, e
um valor de viscosidade tal como definido acima variando
entre 3 e 26.

Em uma modalidade preferida, a composicdo e a
espessura da camada de topo sdo otimizadas de modo a se
obter uma elevada sensibilidade, uma boa estabilidade & luz
do dia e menor ou nenhuma formacdo de sedimentos durante o

processamento. Para reduzir os sedimentos, a camada de topo
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compreende menos alcool polivinilico, o &lcool polivinilico
possuindo um peso molecular mais baixo, de preferéncia um
valor de viscosidade abaixo de 26, mais preferivelmente
abaixo de 10, e uma espessura tdo baixa quanto possivel,
porém acima de 0,25 g/m?’. para melhorar a sensibilidade, é
desejada uma boa barreira ao oxigénio, usando-se um &lcool
polivinilico com um elevado grau de  hidrélise, de
preferéncia 88 a 98 %, e uma maior espessura da camada de
topo. Para melhorar a estabilidade & luz do dia, é desejada
pequena penetracdo de oxigénio, o que se obtém pelo uso de
uma barreira de oxigénio com propriedade de barreira de
oxigénio reduzida, de preferéncia pelo uso de uma menor
espessura da camada de topo e com um &lcool polivinilico
possuindo um grau de hidrélise mais baixo. Dado um bom
equilibrio de tais elementos, pode ser obtida uma
propriedade otimizada para o precursor,

A camada de topo pode também compreender um
componente selecionado a partir dos compostos da solucdo de
goma acima descritos.

Exposigéo

A etapa de exposigdo a imagem é efetuada fora da
prensa em um compositor de chapa / placa, isto €, um
equipamento de exposic¢do adequado para expor O precursor a
imagem por meio de um laser, tal como um diodo de laser,
com emissdo em torno de 830 nm, um laser NdYAG, com emissdo
em torno de 1060 nm, um laser violeta, com emissdo em torno
de 400 nm, ou um laser de gas, tal como um laser de Ar, ou
por meio de uma exposicdo a UV digital modulada, por

exemplo por meio de dispositivos digitais de espelhos, ou
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por meio de uma exposigdo convencional em contato com uma
mascara. Em uma modalidade preferida da presente invencéo,
O precursor €& exposto & imagem por meio de um laser
emitindo luz IR ou luz violeta.
Pré-aquecimento

Apbs tal etapa de exposigdo & imagem, o precursor
€é€ aquecido em uma unidade de pré-aquecimento para promover
ou acelerar a reagdo de polimerizacdo e/ou reticulacdo. Tal
etapa de pré-aquecimento é efetuada dentro de um periodo de
tempo menor que 10 minutos, de preferéncia menor que 5
minutos, mais preferivelmente menor que 1 minuto, ainda
mais preferivelmente o) pré-aquecimento é efetuado
imediatamente apds a exposicdo a imagem, isto &, dentro de
menos que 30 segundos. N&o h& qualquer limite de tempo
antes que o aquecimento possa comegar, porém O precursor &
aquecido tdo logo possivel apdés a exposicdo, usualmente
apés alguns segundos, para transporte da placa para a
unidade de pré-aquecimento e inicio do processo de
aquecimento. Nesta etapa de aquecimento o precursor &
aquecido a uma temperatura de preferéncia de 80 °C a 150 °C
e durante um tempo de residéncia de preferéncia de 5
segundos a 1 minuto. A unidade de pré-aquecimento estaréa de
preferéncia provida com elementos de aquecimento tais como
lampadas IR, lampadas UV, ar aquecido, um rolete ou
cilindro metdlico aquecido, etc.
Lavagem

Apbs a etapa de pré-aquecimento, e antes da etapa
de revelagdo por goma, o precursor pode ser lavado em uma

estagcdo ou posto de pré-lavagem, em que pelo menos parte da
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camada de topo pode ser removida por meio de um liquido de
lavagem, isto é, &gua ou uma solucdo aquosa, fornecido ao
revestimento do precursor. O 1liquido de lavagem ¢é de
preferéncia agua, mais preferivelmente agua potéavel.

O termo ™“aquosa” inclui a &gua ou misturas de
agua com solventes orgdnicos misciveis em &gua, tais como
alcoois, por exemplo o metanol, o etanol, o 2-propanol, o
butanol, o &lcool iscamilico, o octanol, o &lcool cetilico,
etc., glicdis, por exemplo o etileno glicol, a glicerina, a
N-metil pirrolidona, o metoxi propanol, e cetonas, por
exemplo a 2-propanona e a 2-butanona, etc. O solvente
orgédnico miscivel com &gua pode estar presente em tais
misturas em no maximo 50 % em peso, de preferéncia menos
que 20 % em peso, mais preferivelmente menos que 10 % em
peso, ainda mais preferivelmente nenhum solvente orgénico
estara presente na solugdo aquosa. A solucdo aquosa pode
conter também um composto solubilizado ou dispersado em
agua ou em uma mistura de &qua e um solvente miscivel com a
agua. Tals compostos podem ser selecionados dentre os
compostos da solu¢do de goma tal como acima descrito.

O liquido de lavagem usado nesta etapa possui de
preferéncia uma temperatura variando entre 15 °C e 85 °C,
mais preferivelmente entre 18 °C e 65 °C, ainda mais
preferivelmente entre 20 °C e 55 °C.

A estacdao de pré-lavagem pode compreender pelo
menos uma unidade de pré-lavagem em que o liquido de
lavagem ¢é aplicado ao precursor por uma técnica de
borrifamento, jateamento, imersao, ou revestimento,

incluindo revestimento por rotacao, revestimento por
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cilindros, revestimento em fenda, ou revestimento por
rotogravura, ou por esfregamento com um coxim impregando ou
por derramento do 1liquido, seja manualmente ou em um
equipamento automdtico. Sdo preferidas as técnicas de
borrifamento, jateamento, imersdo ou revestimento.

Un exemplo de um bico de borrifamento que pode
ser usado na técnica de borrifamento consiste de um bico de
borrifamento auxiliado por ar do tipo SUJ1l, comercialmente
disponivel através da Spraying Systems Belgium, de
Bruxelas. O bico de borrifamento pode ser montado a uma
distancia de 50 mm a 200 mm entre o bico e o substrato
receptor. A vazdo da solugdo de borrifamento pode ser
ajustada para 7 ml/min. Durante o processo de borrifamento,
pode ser usada uma pressdo de ar na faixa de 4,80 x 10° Pa
no cabegote de borrifamento. Tal camada pode ser seca
durante o processo de borrifamento e/ou apds o processo de
borrifamento. Os exemplos tipicos de bicos de jato que
podem ser usados na técnica de jateamento incluem bicos de
jato de tinta e bicos de jato de valwvula.

Pelo menos uma das unidades de pré-lavagem pode
estar provida com um rolete para esfregar e/ou escovar o
revestimento enquanto o liquido de lavagem é aplicado ao
revestimento.

O 1liquido de lavagem usado na etapa de pré-
lavagem pode ser coletado em um tanque e o liquido de
lavagem utilizado varias vezes. O liquido de lavagem pode
ser reposto pela adigdo de &gua e/ou solucdo aquosa fresca
ao tanque da unidade de pré-lavagem. A agua ou solucdo

aquosa frescas sdo respectivamente 4&gua ou solucdo aquosa
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que ndo foram usadas antes para lavagem de um precursor.
Como alternativa, o liquido de lavagem pode ser usado
apenas uma vez, 1isto é, somente &gua fresca ou solucdo
aquosa fresca sdo aplicadas ao revestimento, de preferéncia
por uma técnica de borrifamento ou Jjateamento. De
preferéncia, é usada &gua potavel nesta alternativa.

A estacdo de pré-lavagem pode compreender duas ou
mais unidades de pré-lavagem, de preferé&ncia duas ou trés
unidades de pré-lavagem.

Em uma modalidade preferida da presente invencéao,
a estacdo de pré-lavagem compreende uma primeira e uma
segunda unidade de pré-lavagem em que o precursor &
primeiramente lavado na primeira unidade de pré-lavagem e
subseqiientemente lavado na segunda unidade de pré-lavagem.
O precursor pode ser primeiramente lavado na primeira
unidade de pré-lavagem com liquido de lavagem que foi usado
na segunda unidade de pré-lavagem e, subseqglientemente,
lavado na segunda unidade de pré-lavagem com agua fresca ou
solugao aquosa fresca, de preferéncia por uma técnica de
borrifamento ou jateamento. Como alternativa, as primeira e
segunda unidades de pré-lavagem possuem de preferéncia a
configuracdo de um sistema em cascata, em que o liquido de
lavagem usado para lavagem do precursor na primeira e
segunda unidades de pré-lavagem estd respectivamente
presente em um primeiro e um segundo tanque, e em que O
liquido de 1lavagem do segundo tanque transborda para o
primeiro tanque quando &gua fresca ou solucdo aquosa fresca

sdo adicionadas a segunda unidade de pré-lavagem.
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Em outra modalidade da presente invencdo, a
estagdo de pré-lavagem pode incluir uma primeira, uma
segunda e uma terceira unidade de pré-lavagem, em que o
precursor € primeiramente lavado na primeira unidade de
pré-lavagem, subseqlentemente na segunda unidade de pré-
lavagem e finalmente na terceira unidade de pré-lavagem. O
precursor pode ser primeiramente lavado na primeira unidade
de pré-lavagem com liquido de lavagem que foi usado na
segunda unidade de pré-lavagem, subseqiientemente lavado na
segunda unidade de pré-lavagem com liquido de lavagem que
foi usado na terceira unidade de pré-lavagem e finalmente
lavado na terceira unidade de pré-lavagem com agua fresca
ou solugdo aquosa fresca, de preferéncia por uma técnica de
borrifamento ou jateamento. Como alternativa, as primeira,
segunda e terceira unidades de pré-lavagem possuem de
preferéncia a configuragdo de um sistema em cascata, em que
os liquidos de lavagem usados para lavagem do precursor nas
primeira, segunda e terceira unidade de pré-lavagem esté&o
respectivamente presentes em um primeiro, segundo e
terceiro tanque, e em que o liquido do terceiro tanque
transborda para o segundo tanque quando &gua fresca ou
solucdo aquosa fresca é adicionada na terceira unidade de
pré-lavagem e o liquido de lavagem do segundo tanque
transborda para o primeiro tanque.

Em outra modalidade da presente invencdo, o
liquido de lavagem usado em cada uma das unidades de pré-
lavagem pode também ser regenerado através da remocdo de
materiais insoluveis presentes no liquido de lavagem. A

presenca de materiais insoldveis no liquido de lavagem pode
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ter sido causada por varias razdes, por exemplo pela
lavagem de um revestimento contendo pigmento, por
evaporagao de solvente ou &gua do liquido de lavagem, ou
por sedimentagdo, coagulagdo, ou floculacdo de componentes
no liquido de lavagem. O material insoluvel pode ser
removido por varias técnicas, tais como por filtracéo,
ultracentrifugacdo, ou decantagdo. Um equipamento adequado
para descarte de uma solugdo de despejo, tal como o liquido
de lavagem da presente invencdo estd descrito no EP A 747
773. O equipamento pode estar conectado ao tanque de uma
unidade de pré-lavagem para regenerar o liquido de lavagem
usado por circulacdo do liquido de lavagem através de um
filtro ou membrana de filtro. O liquido de lavagem pode ser
circulado pelo filtro ou membrana de filtro continuamente,
periodicamente, ou durante o tempo de lavagem, ou a
circulagdo ser regulada pela medicdo da turbidez ou
transparéncia (isto é, transmissdo dptica) do liquido de
lavagem, a circulagdo sendo iniciada quando a turbidez
supera um valor maximo e é sustada quando for alcancado um
valor inferior. Os valores de turbidez superior e inferior
podem ser escolhidos com relagcdo ao grau desejado de
purificacdo, de um modo geral a transmissdo o6ptica do
liquido de lavagem ndo é inferior a 50 % do seu valor no
inicio, de preferéncia ndo menor do que 80 %, mais
preferivelmente n&o menor do que 95 %.

Na presente invengdo, pelo menos parte da camada
de topo, quando presente, pode ser removida na etapa de
lavagem, de preferéncia mais de 50 % da camada de topo

sendo removida, mais preferivelmente mais de 80 %, ainda
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e

mais preferivelmente mais de 95 %. De acordo com uma
modalidade preferida da presente invencdo, a camada foto
polimerizavel nao é substancialmente extraida ou
solubilizada na etapa de lavagem, pelo que o liquido de
lavagem usado na etapa de lavagem ndo contém componentes da
camada foto polimerizadvel em uma concentracdo menor do que
2 % em peso, mais preferivelmente menor que 1 % em peso, de
tais ingredientes da camada foto polimerizével, ainda mais
preferivelmente menos que 0,5 % em peso. Os componentes da
camada foto polimerizavel que sdo de preferéncia omitidos
tanto quanto possivel no liquido de lavagem sdo o mondmero
polimerizavel, o mondémero multifuncional, o iniciador, o
inibidor e/ou o sensibilizador.
Processamento por goma

Apbés a etapa de aquecimento na unidade de pré-
aquecimento, ou, quando estd presente uma etapa de lavagem,
apbés a etapa de lavagem, o precursor ¢ revelado em uma
estacdo de gomagem através da aplicacdo de uma solucdo de
goma ao revestimento do precursor, desse modo removendo do
suporte as areas ndo expostas da camada foto polimerizavel
e gomando a placa / chapa em uma uUnica etapa. A estacdo de
gomagem compreende pelo menos uma unidade de gomagem, em
que a goma é aplicada ao precursor por meio de uma técnica
de borrifamento, jateamento, imersdo, ou revestimento, ou
por esfregamento com um coxim ou “boneca” impregnada ou por
derramamento, seja manualmente ou em um equipamento
automatico.

Um exemplo de um bico de borrifamento que pode

ser usado na técnica de borrifamento consiste de um bico de
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borrifamento auxiliado por ar do tipo SUJ1, comercialmente
disponivel através da Spraying Systems Belgium, de
Bruxelas. O bico de borrifamento pode ser montado a uma
distadncia de 50 mm a 200 mm entre o bico e o substrato
receptor. A vazdo da solugdo de borrifamento pode ser
ajustada para 7 ml/min. Durante o processo de borrifamento,
pode ser usada uma pressdo de ar na faixa de 4,80‘x 10° Pa
no cabegote de borrifamento. Tal camada pode ser seca
durante o processo de borrifamento e/ou apdés o processo de
borrifamento. Os exemplos tipicos de bicos de jato que
podem ser usados na técnica de jateamento incluem bicos de
jato de tinta e bicos de jato de valvula.

Pelo menos uma das unidades de gomagem pode estar
provida com pelo menos um rolete para esfregar e/ou escovar
O revestimento enquanto a goma é aplicada ao revestimento.
A goma usada na etapa de revelagdo pode ser coletada em um
tanque e a goma utilizada varias vezes. A goma pode ser
reposta pela adigdo de uma solucdo de reposicdo ao tanque
da unidade de gomagem. Como alternativa, a solucdo de goma
pode ser usada apenas uma vez, isto é, somente a solucdo de
goma inicial é aplicada ao revestimento, de preferéncia por
uma técnica de borrifamento ou jateamento. A solucdo de
goma inicial é uma solugdo de goma que ndo foi usada para
revelacdo de um precursor e que possul a mesma composicdo
que a solugao de goma usada no inicio da revelacdo.

A solugdo de reposicdo consiste de uma solucédo
que pode ser selecionada dentre uma solucdo de goma
inicial, uma solucdo de goma concentrada, uma solucdo de

goma diluida, uma solucdo de um tenso ativo ndo iédénico,
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agua, uma solugdo de um tampdo possuindo um pH variando
entre 4 e 7, ou uma goma de cozimento. Uma solugdo de goma
diluida ou concentrada consiste de uma solucdo
compreendendo respectivamente uma concentracdo mais baixa
ou mais elevada de aditivos de goma tal como definido
acima. Uma solucgdo de goma concentrada pode ser adicionada
como a solugdo de reposicdo quando a concentracdo de
produtos ativos estiver abaixo de um nivel desejado na
solugdo de goma. Uma solugdo de goma diluida ou &gua pode
ser usada quando a concentragdo de produtos ativos esteja
acima de um nivel desejado na solugdo de goma, ou quando a
viscosidade da solucdo de goma se eleve, ou quando o volume
da solucdo de goma esteja abaixo de um nivel desejado, por
exemplo devido a evaporagcdo do solvente ou A&agua. Uma
solugcdo de um tenso ativo ndo idénico, ou uma solucdo de um
tampdo, podem ser adicionadas quando a solugcdo de goma
necessite uma concentragdo mais elevada de um tenso ativo,
ou quando o pH da solugdo de goma deva ser controlado em um
valor de pH desejado, ou em um valor de pH desejado em uma
faixa de dois valores de pH, por exemplo entre 4 e 7.

A adicdo de solugao de reposigao, isto é, o tipo
e a quantidade de solugdo de reposicdo, pode ser regulada
pela medigdo de pelo menos um dentre os seguintes
parametros: o numero e a 4area do precursor de chapa
revelado, o periodo de tempo de revelacdo, o volume em cada
unidade de gomagem (niveis minimo e maximo), a viscosidade
(ou aumento da viscosidade) da solugdo de goma, o pH (ou
mudanca de pH) da solucdo de goma, a densidade (ou aumento

da densidade) da solucdo de goma e a condutividade (ou
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aumento da condutividade) da solucdo de goma, ou uma
combinagdo de pelo menos dois destes. A densidade (ou
elevacdo da densidade) da solugdo de goma pode ser medida
por meio de um densitémetro PAAR.

A solugdo de goma usada nesta etapa possui de
preferéncia uma temperatura variando entre 15 °C e 85 °C,
mais preferivelmente entre 18 °C e 65 °C, ainda mais
preferivelmente entre 20 °C e 55 °C.

Em uma modalidade preferida da presente invencao,
a estacao de gomagem compreende uma primeira e uma segunda
unidades de gomagem, em que O precursor é primeiramente
revelado na primeira unidade de gomagem e subseqgiientemente
revelado na segunda unidade de gomagem. O precursor pode
ser primeiramente revelado na primeira unidade de gomagem
com uma solugdo de goma que foil usada na segunda unidade de
gomagem e, subseqientemente, revelado na segunda unidade de
gomagem com solugcdo de goma inicial, de preferéncia por
meio de uma técnica de borrifamento ou jateamento. Como
alternativa, as primeira e segunda unidades de gomagem
possuem de preferéncia a configuragdo de um sistema em
cascata, em que a solugdo de goma usada para revelar o
precursor nas primeira e segunda unidades de gomagem esté
de preferéncia presente em um primeiro e um segundo
tanques, e em que a solucdo de goma do segundo tanque
transborda para o primeiro tanque quando solugdo de
reposicao for adicionada a segunda unidade de gomagem.
Opcionalmente, também pode ser adicionada & primeira
unidade de gomagem uma solucdo de reposicdo, tal solucdo de

reposicdo podendo ser a mesma ou outra solucdo de reposicao
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que aquela adicionada a segunda unidade de gomagem, por
exemplo uma solugdo de goma diluida, uma solucdo de um
tenso ativo ndo idnico, ou agua podem ser adicionadas como
reposigdo a primeira unidade de gomagem.

Em outra modalidade da presente invencdo, a
estagcao de gomagem compreende uma primeira, uma segunda e
uma terceira unidades de gomagem, em que © precursor é
primeiramente revelado na primeira unidade de gomagem,
subseqlientemente na segunda unidade de gomagem e finalmente
na terceira unidade de gomagem. O precursor pode ser
primeiramente revelado na primeira unidade de gomagem com
solucao de goma que foi wusada na .segunda unidade de
gomagem, subseqlentemente revelado na segunda unidade de
gomagem com solu¢gdo de goma que foi usada na terceira
unidade de gomagem, e finalmente revelado na terceira
unidade de gomagem com solugdo de goma inicial, de
preferéncia por meio de uma técnica de borrifamento ou
jateamento. Como alternativa, as primeira, segunda e
terceira unidades de possuem de preferéncia a configuracéao
de um sistema em cascata, em que a solucdo de goma usada
para revelacdo do precursor nas primeira, segunda e
terceira unidades de gomagem estd respectivamente presente
em um primeiro, segundo e terceiro tanque, e em que a
solugcdo de goma do terceiro tanque transborda para o
segundo tanque quando solugdo de reposigdo é adicionada na
terceira unidade de gomagem e a solucdo de goma do segundo
tanque transborda para o primeiro tanque. Opcionalmente,
pode também ser adicionada uma solugdo de reposicdo as

segunda e/ou terceira unidades de gomagem, tal solucdo de
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reposigao podendo ser a mesma ou outra solucdo de reposicao
daquela adicionada & terceira unidade de gomagem, por
exemplo uma solugcdo de goma diluida, uma solucdo de um
tenso ativo ndo idnico, ou &qua podem ser adicionadas como
reposicdo a segunda ou primeira unidades de gomagem. Em
outra opgdo, podem também ser adicionadas duas solugdes de
reposicdo diferentes a uma unidade de gomagem, por exemplo
uma solugdo de goma inicial e &gua.

Em outra modalidade da presente invencdo, a
solugcdo de goma usada em cada uma das unidades de gomagem
pode ser regenerada pela remocdo de materiais insoluveis
presentes na solucdo de goma de uma unidade de gomagem. A
presenca de materiais insollveis na solucdo de goma pode
ter sido causada por varias razdes, por exemplo pela
revelacdo de um revestimento contendo pigmento, por
evaporagdao de solvente ou &agua da solucdo de goma, ou por
sedimentacdo, coagulagdo, ou floculacdo de componentes na
solugcdo de goma. O material insoluvel pode ser removido
continuamente ou em batelada, por meio de varias técnicas,
tais como por filtragdo, ultra-filtracdo, centrifugacdo, ou
decantagao. Um equipamento adequado para descarte de uma
solucdo de revelacdo de despejo, tal como a solucdo de goma
da presente invencdo estd descrito no EP A 747 773. O
equipamento pode estar conectado ao tanque de uma unidade
de gomagem para regenerar a solucdo de goma usada pbr
circulacdo da solugdo de goma através de um filtro ou
membrana de filtro. A solugdo de goma pode ser circulada
pelo filtro ou membrana de filtro continuamente,

periodicamente, ou durante o tempo de revelacdo, ou a
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circulagdo ser regulada pela medigdo da turbidez ou
transparéncia (isto é, transmissdo oéptica) da solucdo de
goma, a circulagdo sendo iniciada quando a turbidez supera
um valor superior e sustada quando for alcancado um valor
inferior. Os valores de turbidez superior e inferior podem
ser escolhidos com relagdo ao grau desejado de purificacao,
de um modo geral a transmissdo o6ptica da solucdo de goma
nac é inferior a 50 % do seu valor no inicio, de
preferéncia ndo menor do que 80 %, mais preferivelmente ndo
menor do que 95 %.
Secagem

De acordo com outra modalidade da presente
invencdo, a placa / chapa pode ser seca apdés a etapa de
processamento por goma em uma unidade de secagem. Em uma
modalidade preferida, a chapa é seca por aquecimento da
placa na unidade de secagem, a qual pode conter pelo menos
um elemento de agquecimento selecionado dentre uma lampada
IR, uma lémpada UV, um cilindro de metal aquecido, ou ar
aquecido. Em uma modalidade preferida da presente invencéo,
a chapa é seca por meio de ar aquecido, tal como conhecido
na secao de secagem de uma maquina de revelacdo classica.
Cozimento

De acordo com outra modalidade da presente
invencdo, a chapa pode ser aquecida em uma unidade de
cozimento ou cura, opcionalmente apds a secagem da chapa.
Em uma modalidade preferida da presente invencdo, quando a
chapa € aquecida em uma unidade de cozimento, o precursor é
revelado através do uso de uma goma de cozimento e a

solugcdo de goma é de preferéncia reposta através da adicdo
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de uma goma de cozimento de reposicdo. Tal goma de
cozimento de reposigdo consiste de uma solucdo que pode ser
selecionada dentre uma goma de cozimento inicial, isto &,
uma solugdo possuindo a mesma composicdo que a goma de
cozimento wusada no inicio da revelacdo, uma goma de
cozimento concentrada, ou uma goma de cozimento diluida,
isto é, uma solugdo possuindo uma concentracdo de aditivos
respectivamente maior ou menor do que a goma de cozimento
inicial, e &agua.

A unidade de cozimento pode conter pelo menos um
elemento de aquecimento selecionado dentre uma lampada IR,
uma lampada UV, um cilindro de metal aquecido, ou ar
aquecido. A chapa é de preferéncia aquecida na unidade de
cozimento a uma temperatura acima de 150 °C e menor do que
a temperatura de decomposicdo do revestimento, mais
preferivelmente entre 200 °C e 295 °C, ainda mais
preferivelmente entre 250 °C e 290 °C. Um tempo de
aquecimento mais longo € usualmente utilizado quando for
usada uma temperatura de aquecimento mais baixa, e um tempo
de aquecimento mais curto utilizado quando for usada uma
temperatura de aquecimento mais elevada. A chapa ¢é de
preferéncia aquecida durante um periodo de tempo abaixo de
10 minutos, mais preferivelmente menos do que 5 minutos,
ainda mais preferivelmente menos de 2 minutos.

Em uma modalidade preferida da presente invencéo,
a chapa é aquecida pelo método descrito no EP A 1 506 854.
em outra modalidade preferida da presente invencdo, a chapa

€ aquecida pelo método descrito no WO 2005/015 318.
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Em outra modalidade da presente invencgdo, a etapa
de secagem e a etapa de aquecimento podem ser combinadas em
uma unica etapa, em que a chapa, apds a etapa de revelacao
por goma, é seca e aquecida em uma estacdo integrada de
secagem / cozimento.

Equipamento unico

De acordo com outra modalidade da presente
invengcdo, a unidade de pré-aquecimento e a unidade de
gomagem podem estar acopladas entre si por meio de
dispositivos mecdnicos de transporte de placa / chapa. A
unidade de gomagem pode também estar acoplada por meio de
dispositivos mecdnicos de transporte de placa / chapa a
unidade de secagem. A estagdo de secagem pode também estar
acoplada por meio de dispositivos mecédnicos de transporte
de placa / chapa a unidade de cozimento. A unidade de
gomagem pode também estar acoplada por meio de dispositivos
mecdnicos de transporte de placa / chapa a unidade
integrada de secagem - cozimento.

De acordo com mais outra modalidade preferida da
presente inveng¢ao, a unidade de pré-aquecimento, acoplada a
unidade de gomagem, pode estar acoplada ao compositor de
placas por meio de dispositivos mecédnicos de transporte de
placa / chapa em que o precursor é protegido contra a luz
ambiente.

EXEMPLOS

Preparagdo de suporte de aluminio S-1.

Uma folha ou lamina de aluminio com espessura de
0,3 mm foi desengraxada por borrifamento com uma solucdo

aquosa contendo 26 g/l de hidréxido de sédio a 65 °C por 2
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segundos e rinsada com &gua deionizada por 1,5 segundos. A
folha foi a seguir eletroquimicamente granulada durante 10
segundos usando-se uma corrente alternada em uma solucgdo
aquosa contendo 15 g/1 de &cido cloridrico, 15 g/1 de ions
S0, e 5 g/1 de ions Al%* a uma temperatura de 37 °C e uma
densidade de corrente de cerca de 100 A/dm?’. A folha de
aluminio passou a seguir por limpeza cdustica com uma
solugdo aquosa contendo 5,5 g/l de hidrdéxido de sédio a 36
°C por 2 segundos e rinsada com agua deionizada por 2
segundos. A folha foi subseqlientemente submetida a oxidacao
andédica durante 15 segundbs em uma solugdo aquosa contendo
145 g/1 de &acido sulfurico a uma temperatura de 50 °C e uma
densidade de corrente de 17 A/dm?, a seguir lavada com agua
deionizada por 11 segundos e pds-tratada por 3 segundos por
borrifamento de uma solugdo contendo 2,2 g/l de A&cido
polivinil fosfénico a 70 °C, rinsada com &gua deionizada
por 1 segundo e seca a 120 °C por 5 segundos.

O suporte assim obtido era caracterizado por uma
aspereza de superficie, Ra, de 0,35 a 0,4 pum, medida com o
interferémetro NT1100, e possuia um peso anddico de 3,0
g/m?.

Preparag¢ido de suporte de aluminio S-2.

A preparacao deste suporte é efetuada da mesma
forma descrita para o suporte S-1, com a excecdo de que a
camada de &cido polivinil fosfénico é parcialmente removida
por tratamento com PD91, uma solucdo reveladora alcalina de
base aquosa, comercialmente disponivel através da Agfa-
Gevaert, seguido por lavagem com agua.

Preparag¢io da camada foto sensivel P-1.
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As composigdes de revestimento para a camada foto
sensivel P-1 foi preparada por mistura dos ingredientes
especificados na Tabela 2. A solucdo resultante foi
revestida sobre um suporte. Apds o revestimento, a placa
foi seca por um minuto a 120 °C em uma estufa com

circulagdo. A quantidade aplicada resultante foi de 1,20

g/m?.
Tabela 2: Composig¢des das solucgdes da camada foto sensivel
Composigdo / ingredientes P-1
Koma 30 (1), g 138,20
FST 426R (2), g 8,82
Mono 721620 (3), g 93,13
Heliogene Blue D7490 (4), g 55,97
DISB (3), g 2,92
HABI (6), g 4,42
MBT (7), g 0,20
Hostanox 03 (8), g 0,34
Edaplan LA411 (9), g 0,68
Dowanol PM (10), g 526,39
Butanona, g 1,69,92

(1) Koma 30 é um copolimero de vinil butiral, &lcool
vinilico e acetato de vinila, esterificado com &cido
trimelitico, 13,9 % em peso, comercialmente disponivel
através da Clariant;

(2) O FST 426R é uma solucgdo em 2-butanona contendo 88,2 %
em peso de um produto de reagcdo de 1 mol de diisocianato de

2,2,4-trimetil hexametileno e 2 moles de metacrilato de

hidroxi etila (viscosidade de 3,30 mm?/s a 25 °C);
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(3) O Mono 721620 é uma solugdo em 2-butanona contendo 30,1
% em peso de um produto de reacdo de 1 mol de diisocianato
de hexametileno, 1 mol de metacrilato de 2-hidroxi etila e
0,5 mol de 2-(2-hidroxi etil) piperidina (viscosidade de
1,7 mm*/s a 25 °C);
(4) O Heliogene Blue D7490 é uma dispersdo (9,9 % em peso,
viscosidade de 7,0 mm?’/s a 25 °C), marca comercial da BASF,
tal como definido na EP 1 072 956;
(5) DISB é o 1,4-di[3,5-dimetoxi 4-isobutoxi estiril]
benzeno;
(6) HABI é a 2,2'-bis(2-cloro fenil) 4,4’,5,5'-tetrafenil
1,2-bis(imidazola);
(7) MBT é a 2-mercapto benzo tiazola;
(8) O Hostanox 03 é um antioxidante fendélico,
comercialmente disponivel através da Clariant;
(9) O Edaplan LA411 é um tenso ativo (solucdo a 10 % em
peso em Dowanol PM®, marca comercial da Dow Chemical
Company) obtido através da Munzing Chemie;
(10) O Dowanol PM é o éter monometilico de propileno
glicol, marca comercial da Dow Chemical Company.

Preparagao da camada de overcoat OC-1.

Sobre a camada foto sensivel foi aplicada uma
solug¢do em &gua com a composicdo definida na Tabela 3,
sendo seca a 110 °C por 2 minutos. O overcoat OC-1 protetor
assim formado possuia uma espessura seca de 1 g/m°.

Tabela 3: composicdo da solucdo de overcoat.

Componente OC-1

Alcool polivinilico parcialmente hidrolisado (grau 9,73

de hidrdélise de 88 %, viscosidade de 4 mPa.s em
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uma solugdo a 4 % em peso a 20 °C), g

Alcool polivinilico parcialmente hidrolisado (grau 4,25
de hidrélise de 88 %, viscosidade de 8 mPa.s em

uma solugdo a 4 % em peso a 20 °C), g

Alcool polivinilico completamente hidrolisado 8,50
(grau de hidrélise de 98 %, viscosidade de 6 mPa.s

em uma solugdo a 4 % em peso a 20 °C), g

Acticide LA1206 (1), g 0,05
Lupasol P (2), g 0,23
Lutensol A8 (3), g 0,22
Agua, g 977,03

(1) O Acticide LA1206 é um biocida, comercialmente
disponivel através da Thor;

(2) O Lupasol P é uma solucdo a 50 % em peso de uma
polietileno imina em &gua, comercialmente disponivel
através da BASF;

(3) O Lutensol A8 (90 % em peso) é um agente tenso ativo,
comercialmente disponivel através da BASF.

Preparagdo da chapa de impressio.

O precursor foi imageado com uma energia de 25
ui/cm® em um dispositivo compositor de placas violeta
Advantage DL3850 (capacidade de enderecamento: 1270 dpi).

Foi efetuado um pré-aquecimento na secdo de pré-
aquecimento de um VSP-85 (velocidade de percurso = 1,2
m/min, temperatura da placa = 110 °C). O tempo entre o
final da exposigdo e o inicio do tratamento de pré-
aquecimento foi variado: 0,5, 1, 5, 10, 15, 30 e 60

minutos.
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Apbs o pré-aquecimento as placas de impresséao
foram reveladas na secdo de revelacdo de um VSP-85 em uma
solucdo da goma 1 a 25 °C, a 1,2 m/min).

A goma 1 é uma solucdo preparada como se segue:

Em 750 g de agua deionizada foram adicionados:

100 ml de Dowfax 3B2 (comercialmente disponivel
através da Dow Chemical);

31,25 g de sal dissdédico do acido 1,3-benzeno
disulfdnico (disponivel através da Riedel de Haan);

31,25 ml de Versa TL77 (um &cido poliestireno
sulfénico disponivel através da Alco Chemical);

10,4 g de citrato trissédico dihidratado;

2 ml de Acticide LA1206 (um biocida da Thor);

2,08 g de Polyox WSRN-750 (disponivel através da
Union Carbide);
sob agitacdo, sendo adicionada &gua deionizada até 1000 g.
O pH ficou entre 7,2 e 7,8

as placas de impressdo foram avaliadas por
inspecao da reprodugdo em destaque de um raster de 110 lpi.
Na Tabela 4 os ponto % minimos que estavam perfeitamente ou
quase perfeitamente visiveis na placa de impressido s&o
apresentados como uma fungdo do tempo entre o final da
exposig¢do e o inicio do pré-aquecimento (A tempo, min).

Tabela 4: reprodugdo de destaque em funcdo do A tempo

A tempo, min Reproducdo de destaque, 110
lpi, %
0,5 3
1 3
5 3
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10 4
15 5
30 6
60 6

Pela Tabela 4 fica claro que um tempo crescente
entre o final da exposicdo e o inicio do pré-aquecimento (A
tempo) resulta em uma redugdo da reproducdo de destaque.
Quando o A tempo estd entre 0,5 e 5 minutos, um padrdo de 3
% de pontos é ainda visivel na placa de impressdo apds o
processamento. Quando o A tempo chega a 30 ou 60 minutos, o

padrdo de 3 % de pontos (e mesmo os padrdes de 4 e 5 % de

pontos) ndo sdo mais visiveis.




10

15

20

25

1/3

REIVINDICAGCOES

1. Método para a produgdo de uma placa para
impressdao litografica, CARACTERIZADO pelo fato de que
compreende as etapas de:

(a) prover um precursor de placa de impressao
litografica compreendendo:

(1) um suporte gque possui uma superficie
hidrofilica ou que estd provido com uma camada hidrofilica,

(ii) um revestimento sobre o) suporte,
compreendendo uma camada foto polimerizavel e,
opcionalmente, uma camada intermedidria entre a camada foto
polimerizdvel e o suporte, em que a camada foto
polimerizavel compreende um composto polimerizavel, um
iniciador de polimerizacdo e um ligante;

(b) expor o revestimento a uma imagem por meio de
um laser em um compositor de placa;

(c) aquecer o precursor em uma unidade de pré-
aquecimento dentro de um periodo de tempo menor do que 10
minutos apds a etapa (b);

(d) tratar o precursor em uma unidade ou estacéo
de gomagem, compreendendo pelo menos uma unidade de
gomagem, pelo que uma solugdo de goma ¢é aplicada ao
precursor, desse modo removendo do suporte areas néao
expostas da camada foto polimerizavel e gomando a placa em
uma unica etapa.

2. Método, de acordo com a reivindicacao 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o periodo de tempo é menor

do que 5 minutos.
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3. Método, de acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que o periodo de tempo é menor
do que 1 minuto.

4. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindica¢des precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que,
na etapa (c), o precursor é aquecido na unidade de pré-
aquecimento a uma temperatura variando entre 80 °C e 150
°C.

5. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que,
na etapa (c), o precursor é aquecido na unidade de pré-
aquecimento durante um tempo de residéncia variando entre 5
segundos e 1 minuto.

6. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que
a unidade de pré-aquecimento estd provida com um elemento
de aquecimento.

3 7. Método, de acordo com a reivindicacdo 6,
CARACTERIZADO pelo fato de que o elemento de agquecimento é
uma lampada IR, uma lampada UV, ar aquecido, ou um cilindro
de metal aquecido.

8. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que
a unidade de pré-aquecimento estd acoplada a unidade de
gomagem por dispositivos mecénicos de transporte de placa.

9. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que

a unidade de pré-aquecimento estéd acoplada ao compositor de
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placa por dispositivos mecédnicos de transporte de placa em
que o precursor € protegido contra a luz ambiente.

10. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que,
a unidade de pré-aquecimento estd acoplada & unidade de
gomagem por dispositivos mecénicos de transporte de placa e
a unidade de pré-aquecimento estd também acoplada ao
compositor de placa por dispositivos mecadnicos de
transporte de placa em que o precursor é protegido contra a
luz ambiente.

11. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicacdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que
a solugdo de goma possui um valor de pH variando entre 3 e
9.

12. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicacdes precedentes, CARACTERIZADO pelo fato de que
0 laser emite luz violeta.

13. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicag¢des 1 a 11, CARACTERIZADO pelo fato de que o

laser emite luz infravermelho.
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RESUMO

METODO PARA A PRODUCAO DE UMA PLACA PARA IMPRESSAO

LITOGRAFICA.

E descrito um método para a produgdo de uma placa
para impressdo litogréafica, compreendendo as etapas de: (a)
prover um precursor de placa de impressdo litogréafica
compreendendo (i) um suporte que possul uma superficie
hidrofilica ou que estid provido com uma camada hidrofilica,
(ii) um revestimento sobre o suporte compreendendo uma
camada foto polimerizédvel e, opcionalmente, uma camada
intermedidria entre a camada foto polimerizavel e o
suporte, em que a camada foto polimerizavel compreende um
composto polimerizdvel, um iniciador de polimerizagdo e um
ligante, (b) expor o revestimento a uma imagem em um
compositor de placa, (c) aquecer o precursor em uma unidade
de pré-aquecimento dentro de um periodo de tempo menor do
que 10 minutos apds a etapa (b), (d) tratar o precursor em
uma unidade ou estacdo de gomagem, compreendendo pelo menos
uma unidade de gomagem, pelo que uma solugdo de goma €
aplicada ao precursor, desse modo removendo do suporte
dreas ndo expostas da camada foto polimerizadvel e gomando a .

placa em uma Unica etapa.
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